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Description 

L'invention concerne un dispositif permettant I'eta- 
lement d'un ou plusieurs reactifs sur un gel, notamment 
gel d'electrophorese ou d'immunofixation. 

[.'invention concerne egalement un procede met- 
tant en oeuvre le susdit dispositif. 

Les techniques d'electrophorese ou d'immunofixa- 
tion sont habituellement suivies, apres la migration, 
d'une etape d'incubation du gel avec un reactif pour met- 
tre en evidence et eventuellement quantifier les frac- 
tions proteiques separees lors de I'electrophorese. 

Le cas le plus classique est la coloration de I'en- 
semble de fractions proteiques separees par electro- 
phorese au moyen d'un colorant venant se fixer speci- 
fiquement sur celles-ci. Dans ce cas, le reactif utilise (le 
colorant) est un produit generalement bon marche dont 
on peut preparer une solution en quantite suffisante 
pour y immerger totalement le gel. 

Cependant, cette methode n'est pas envisageable 
dans le cas ou il est necessaire d'utiliser de faibies quan- 
tites de reactif, lorsqu'il s'agit d'un reactif couteux, ou 
lorsque sur un meme gel, on veut realiser des incuba- 
tions sur des zones discretes avec des reactifs diffe- 
rents. 

Ces eventualites concernent par exemple le dosa- 
ge des isoenzymes contenues dans un serum (isoLDH, 
isoCK, isophosphatase) ou Ton incube le gel avec un 
substrat (produit couteux) de ces enzymes aboutissant 
a la formation d'un produit color6 ou fluorescent qui per- 
mette la quantification par densitometrie. 

Le cas ou il est necessaire d'effectuer, sur un meme 
gel, des incubations avec des reactifs differents est 
constitue par exemple par I'immunofixation ou differen- 
tes zones discretes du gel doivent etre incubees avec 
differents antiserums de specificite differente (reactif 
couteux) et un fixateur de proteines, 

Dans tous ces cas, on cherche a utiliser une quan- 
tite minimum de reactif. 

Dans la mise en oeuvre des precedes cites ci-des- 
sus, on impregne une feuille de papier filtre decoupee 
a la dimension du gel, avec une quantite juste neces- 
saire de reactif pour qu'elle soit entierement humidifiee 
et on I'applique ensuite sur la surface du gel. 

Dans le cas ou differents reactifs sont eventuelle- 
ment utilises sur des zones distinctes d'un meme gel, 
on decoupe autant de bandes de papier filtre que de 
zones a recouvrir par les differents reactifs, on impregne 
ces differentes bandes des differents reactifs avant de 
les appliquer sur les differentes zones ou I'incubation 
doit avoir lieu. 

Ce procede presente un certain nombre d'inconve- 
nients. II faut en effet eviter d'emprisonner des bulles 
d'air entre le gel et la feuille de papier filtre impregnee 
de reactif, car, au niveau des bulles d'air, la reaction 
n'aurait pas lieu par defaut de reactif sur le gel. Le papier 
etant opaque, il est parfois difficile de detecter la pre- 
sence de ces bulles d'air. 
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Par ail leu rs, pendant la reaction d'incubation, une 
partie des proteines que Ton veut reveler peut s'adsor- 
ber sur le papier, ou plus simplement s'absorber par 
pompage sur ce dernier. 
5 Si un temps d'incubation prolonge est necessaire 
(30* a 1 heure), ce phSnomene s'accentue du fait que, 
au cours de I'incubation, se produit une evaporation a 
partir de la surface libre du papier. Celui-ci ayant ten- 
dance, par capillarite, a conserver un taux d'humidifica- 
10 tion constant, il se cree un flux de liquide, du gel vers le 
papier, avec entraTnement des fractions proteiques a 
doser initialement contenues dans le gel. Ceci entraine 
une perte de sensibilite de la revelation sur le gel et cette 
absorption n'etant pas forcement homogene, la quanti- 
fication par densitometrie des fractions rev6lees pre- 
sente des risques d'erreurs. 

De plus, et surtout, ce procede est manuel et tres 
laborieux et done difficile a mettre en oeuvre en analyse 
clinique de routine, et, en pratique courante, est aban- 
donne. 

Un autre procede egalement utilise consiste a utili- 
ser un masque constitue d'une feuille de plastique sou- 
pie, de preference de nature hydrophobe, ayant ap- 
proximativement le meme contour exterieur que le gel 
et presentant une ou plusieurs ouverture(s) indepen- 
dante(s) de forme rectangulaire. Ce masque, une fois 
applique sur le gel, delimite la ou les zones destinees a 
recevoir le ou les reactifs. 

L'utilisation d'un tel masque presente egalement un 
certain nombre d'inconvenients. 

Apres migration electrophoretique, il arrive fre- 
quemment qu'une partie de liquide exsude en surface 
du gel. Cette exsudation est principalement creee par 
le flux d'electroendosmose. 

Avant d'appliquer le masque sur le gel, il est neces- 
saire d'eliminer ce liquide en exces par un pompage au 
moyen d'un papier filtre fin, car, si du liquide est encore 
present sur le gel, il empeche d'assurer une bonne ad- 
herence du masque sur le gel, ainsi qu'une bonne etan- 
cheite a la peripheric de la ou des zone(s) delimiters). 

En plus de la manipulation supplemental de pom- 
page, le papier filtre risque d'entratner une partie des 
proteines du gel et de fausser le resuttat. 

Par ailleurs, le gel ou les reactifs utilises peuvent, 
dans certains cas, contenir des agents tensioactifs qui 
vont faciliter I'insertion de liquide entre le gel et le mas- 
que et, dans ces conditions, meme apres elimination de 
I'exces de liquide qui a exsude du gel en fin de migration, 
le masque risque de ne pas assurer I'etanch6ite requi- 
se. 

Avec ce type de masque, il est important que la to- 
talite de la surface du masque soit parfaitement appli- 
quee sur le gel. II faut eviter d'emprisonner des bulles 
d'air entre le gel et le masque plastique lors de son po- 
sitionnement sur le gel. Dans le cas contraire, on risque 
d'avoir soit une fuite de reactif sous le masque, soit un 
melange de reactifs adjacents. 

La presente invention a pour objet de proposer un 
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dispositif qui rem6die en grande partie aux inconve- 
nients precedents. 

La presente invention a pour objet un dispositif per- 
mettant le depot, I'etalement et I'incubation d'un reactif 
sur un gel, dans lequei on utilise des quantites de reactif 
du meme ordre de grandeur que les dispositifs classi- 
ques, le dispositif de I'invention etant cependant de- 
pourvu des inconvenients des dispositifs classiques. 

La presente invention a egalement pour objet de 
proposer un dispositif permettant le depat, I'etalement 
et I'incubation d'un reactif sur un gel, dans lequei on peut 
incuber des zones differentes avec des reactifs respec- 
tivement differents, sans qu'il y ait melange de reactifs. 

La presente invention a pour but de proposer un dis- 
positif permettant le dep6t, I'etalement et I'incubation 
d'un reactif sur un gel, dans lequei les manipulations 
sont limitees au minimum. 

La presente invention a pour objet de proposer un 
dispositif de depot, d'etalement et d'incubation d'un 
reactif sur un gel, permettant d'obtenir des resultats 
exacts quant a la quantification des substances fraction - 
nees dans le gel. 

La presente invention a pour objet de proposer un 
dispositif de depot, d'etalement et d'incubation d'un 
reactif sur un gel, susceptible d'etre automat ise. 

L' invention a done pour objet un masque rigide des- 
tine au depdt, a I'etalement et a I'incubation d'un ou plu- 
sieurs liquide(s) sur un gel (de surface totale Sg) selon 
une ou plusieurs zone(s) determinee(s) du gel, ci-apres 
designee(s) par "surface d'incubation Si", ce masque 
comportant : 

une surface superieure et une surface inferieure, la 
distance separant la surface inferieure et fa surface 
superieure constituant I'epaisseur du masque, 
au moins un orifice destine a permettre le depot et 
I'etalement du liquide sur la surface d'incubation Si 
du gel, et constitue par un evidement traversant le 
masque sur la total ite de son epaisseur, et/ou 
au moins une fente traversant le masque sur la to- 
tality de son epaisseur et destinee a permettre le 
retrait de I'exces de liquide present sur la surface 
d'incubation Si du gel, cette fente etant situee dans 
la partie du masque dont la projection se trouve soit 
dans la surface d'incubation Si, soit en dehors de 
la surface d'incubation Si, 

des moyens de positionnement du masque, desti- 
nes a maintenir sa surface inferieure a une distance 
determinee de la surface Sg du gel a proximite du- 
quel le masque serait amene, dans des conditions 
teiles qu'ils empechent le contact entre la surface 
inferieure du masque et la surface d'incubation Si, 
lorsque le masque est a proximite du gel et que le 
liquide est depose sur le gel, cette surface inferieure 
etant en outre telle qu'elle ne comporte, sur au 
moins une partie d'elle-meme designee par Sm, 
aucune irregularis a sa surface susceptible d'etre 
un obstacle a I'etalement du liquide sur la surface 



4 

d'incubation Si, la surface Sm etant delimitee par 
rapport au reste de la surface inferieure, de telle 
sorte que le liquide ne puisse s'etaler que sur la sur- 
face Si du gel en projection de Sm, cette projection 
de Sm sur le gel etant superieure ou egale a la sur- 
face d'incubation Si du gel. 

L'invention permet avantageusement de placer le 
masque au dessus du gel comportant la ou les surfaces 
d'incubation. Elle permet aussi de placer le masque au 
dessous du gel d'incubation. Dans chaque cas, la sur- 
face de depot, d'etalement et d'incubation des reactifs 
sur le gel est situee a proximite de la surface inferieure 
du masque, cette derniere n'etant toutefois pas en con- 
tact avec la surface d'incubation Si. 

Le liquide est generalement le reactif destine a re- 
veler les proteines qui ont prealablement 6te depos6es 
sur le gel. Le reactif est introduit par I'evidement defini 
ci-dessus, que Ton designe ra egalement par "orifice de 
depot". 

La surface d'incubation Si est la zone du gel qu'il 
est imperatif de recouvrir avec le (ou les) r6actif(s) pour 
que la revelation des proteines se fasse. On designe 
par Li la longueur de la surface d'incubation, e'est-a-dire 
la dimension de ia surface d'incubation parallele a la di- 
rection de migration eiectrophoretique. 

Dans le cas d'un seul reactif, Si peut etre 6gal a la 
surface Sg ou bien Si peut etre une partie de Sg incluant 
neanmoins I'ensemble des pistes de migration, e'est-a- 
dire les zones du gel ou les separations 6lectrophor6ti- 
ques se sont produites. 

II faut cependant noter que la zone effectivement 
recouverte par le reactif peut etre superieure a la surfa- 
ce Si (cf. Figure 6f). 

Dans le cas de I'incubation avec des reactifs diffe- 
rents, ou eventuellement avec un meme reactif, mais 
sur des zones distinctes du gel incluant par exemple 
chacune des differentes pistes de migration, on definit 
la surface d'incubation par Si! , Si 2 , Si n , n etant un nom- 
bre entier egal ou superieur a 2. 

On designe par "Sm" la surface inferieure utile du 
masque, qui ne presente aucune irregularity a sa sur- 
face susceptible de constituer un obstacle a I'etalement 
du reactif sur la surface d'incubation Si, et notamment 
ni aspehte concave, ni asperite convexe, e'est-a-dire 
une surface sans arete, ni decrochement, qui serait sus- 
ceptible d'empecher le reactif de s'etaler sur la surface 
Si, cette surface Sm etant plane ou incurvee ou com- 
porte des elements plans ou incurves. 

La surface Sm peut comporter la fente et I'orifice de 
depot definis ci-dessus. 

De facon avantageuse, la surface Sm est plane ou 
incurvee, notamment cylindrique, de grand rayon par 
rapport aux dimensions de Si. 

La surface Sm peut egalement etre compos6e de 
facettes eiementaires, planes ou incurvees, notamment 
cylindriques, raccord6es entre elles, ces differentes fa- 
cettes, ainsi que leurs raccords, etant tels qu'il n'y a pas 
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obstacle a I'ytalement du liquide sur la surface d'incu- 
bation Si. 

La longueur Lm est la dimension de la surface Sm 
parallele a la direction de migration 6lectrophor6tique. 
La largeurde la surface Sm, dont question ci-apres, cor- 
respond a la dimension perpendiculaire a la longueur 
definie ci-dessus. 

Lorsque cette surface Sm pr6sentant un evidement 
permettant ie depot d'un r^actif est positionn^e a proxi- 
mity de la surface d'un gel, elle doit permettre de main- 
tenir par capillarity, entre elle-meme et la surface Si a 
incuber, un reactif introduit par l'6videment. 

Ce liquide depose peut ensuite s'etaler entre Sm et 
la surface du gel jusqu'a ce qu'il rencontre une discon- 
tinuity qui peut etre sort le bord du gel, soit le bord du 
masque, soit une rainure, soit un deniveiy concave, et 
qui delimite la surface Sm. 

Par etalement du liquide, on entend la progression 
ou deplacement du liquide sur la surface Si, due aux 
seules forces de capillarity (resultant de la proximity de 
la surface infyrieure du masque et de la surface d'incu- 
bation Si) et 6ventuellement aux forces de gravity. 

Dans le cas ou plusieurs ryactifs doivent etre etales, 
on definit les surfaces de masque par Sm 1t Sm 2 , Sm n , 
n etant un nombre entier ygal ou superieur a 2. comme 
autant de surfaces planes, incurvyes, notamment cylin- 
driques, coplanaires, cocylindriques ou compos6es de 
facettes eiymentaires planes ou incurvees, notamment 
cylindriques, ces differentes facettes eiymentaires ytant 
raccordyes entre elles. 

Les surface Sn^ a Sm n sont dyiimityes par des dy- 
niveles concaves ou des rainures. 

En ce qui concerne la fente, elle peut etre situee 
dans le masque, de telle sorte que sa projection se trou- 
ve dans la surface d'incubation Si, on en dehors de la 
surface d'incubation Si, mais adjacente a Tun des bords 
de ladite surface d'incubation Si, ou adjacente a i'un des 
bords de la surface effectivement recouverte par le 
ryactif. Defacon avantageuse, la fente est adjacente au 
bord de la surface Si oppose au voisinage de ('orifice de 
depot. 

La fente est avantageusement situye en dehors de 
la surface d'incubation Si. En effet, si elle est situye dans 
la surface d'incubation Si, il faut qu'elle ait des dimen- 
sions telles qu'elle ne soit pas susceptible d'etre un obs- 
tacle a I'ytalement du liquide. Dans ces conditions, la 
fente est ytroite (inferieure ou ygale a environ 1 mm) et 
permet de maintenir par capillarity un exces de ryactif. 

La topographie de la surface supyrieure est un pa- 
rametre qui peut varier. Cependant, la surface supyrieu- 
re est avantageusement plane. Dans la suite du texte, 
pour simplification de description, on considSrera que 
la surface supyrieure est plane, et que la surface infe- 
rieure utile Sm, de longueur Lm 

soit est sensiblement parallele a la surface supy- 
rieure, 

soit forme avec la surface supyrieure, lorsque celle- 
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ci est utilisee horizontalement, un angle inferieur a 
environ 3°, ou 

soit est sensiblement parallele a la surface supy- 
rieure sur une partie de sa longueur Lm et sur le 
5 reste de sa longueur Lm, dans le prolongement de 
la surface parallele, forme un angle avec la surface 
supyrieure, cet angle ytant tei qu'il n'est pas sus- 
ceptible d'empecher I'ytalement du liquide sur la 
surface d'incubation Si. 

10 

De facon avantageuse, dans le troisieme cas yvo- 
quy ci-dessus relatif a la position respective de la sur- 
face inferieure par rapport a la surface supyrieure, la 
surface infyrieure est avantageusement sensiblement 
15 parallele a la surface supyrieure sur une partie de sa 
longueur Lm qui correspond a la longueur de la surface 
d'incubation Li. Le prolongement de cette surface paral- 
lele par une partie formant un angle avec la surface su- 
perieure est avantageusement tel que Tangle entre la 
surface infyrieure et le gel soit un angle aigu d'environ 
1° a environ 90°, ce qui va favoriser I'yiimination du 
ryactif en exces, lorsque cet angle est au voisinage de 
la fente (cf. figure 6d). 

La surface Sm du masque peut egalement etre in- 
curvee, avantageusement cylindrique. 

Quand la surface du masque est constituee par une 
surface cylindrique, il faut que son diametre soit supy- 
rieur ou ygal au carre de Li. 

Lorsque la surface cylindrique ne concerne qu'une 
fraction f de la longueur d'incubation Li, le diametre doit 
etre superieur ou ygal au carry de la longueur fxLi. 

L'invention concerne egalement un masque destine 
au depot, a I'etalement et a I'incubation d'un ou plusieurs 
liquides, dans leque! la surface infyrieure du masque 
comporte au moins deux deniveles ou deux rainures, 
les deniveles ou rainures ytant espacys les uns des 
autres pour dyiimiter au moins une partie du masque 
Sm, laquelle ne comporte aucune irregularite a sa sur- 
face, susceptible d'etre un obstacle a I'ytalement du li- 
quide sur une surface d'incubation Si, et dont la projec- 
tion sur un gel est ygale ou supyrieure a la surface d'in- 
cubation Si du gel sur laquelle le liquide peut etre etale, 
les dyniveiys et les rainures ayant une hauteur suffisan- 
te pour que le liquide puisse 3tre maintenu par capillarity 
sur la susdite surface d'incubation Si du gel. 

Dans ce mode de realisation de l'invention, la partie 
Sm du masque n'est limitee ni par le bord du gel, ni par 
le bord du masque, mais par au moins deux deniveiys 
ou deux rainures, qui ont une hauteur suffisante, et 
yventuellement une largeur suffisante, pour que le liqui- 
de puisse etre maintenu par capillarity sur la susdite sur- 
face d'incubation Si du gel et ne pas depasser les limites 
de la surface d'incubation Si du gel ou les limites de la 
projection de la surface Sm sur le gel. 

Les rainures peuvent traverser la totality du mas- 
que, et on les designera par "rainures creuses - . Pour 
que les rainures creuses maintiennent le liquide par ca- 
pillarity, il faut que leurs dimensions soient telles qu'el- 
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les ne puissent pas servir de reservoir avec un rassem- 
blement 6ventuel du liquids a I'interieur dudit reservoir, 
et done qu'elles aient avantageusement une largeur su- 
perieure ou egale a 2 mm, et une hauteur superieure ou 
egale a 0,2 mm, avantageusement 0,5 mm et de prefe- 
rence 1 mm. 

Les deniveles ou rainures encadrent une piste de 
migration et sont avantageusement rectilignes. 

En general, les pistes de migration ont la forme de 
bande rectangulaire, ayant par exemple les dimensions 
suivantes: longueur d'environ 10 mm a environ 100 
mm, largeur d'environ 2 mm a environ 80 mm. Lors- 
qu'une piste de migration est encadree par deux rainu- 
res, les deux autres bords de la piste de migration peu- 
vent etre constitues par une partie de deux des bords 
du gel ou de deux des bords du masque, ou par deux 
autres rainures perpend iculaires aux deux autres rainu- 
res precedemment definies. 

Lorsqu'il y a plusieurs pistes de migration, celles-ci 
sont avantageusement telles que leurs bords de plus 
petite dimension sont dans un meme alignement. 

L'invention a egalement pour objet un masque des- 
tine au depot, a I'etalement et a {'incubation d'un seul 
liquide comportant un seul evidement traversant le mas- 
que, destine a permettre le depot, I'etalement et I'incu- 
bation d'un seul liquide sur un gel selon une surface d'in- 
cubation Si du gel. 

Ce mode de realisation concerne le cas ou on veut 
deposer, etaler et incuber un seul liquide. 

Dans ce cas, on envisage un seul evidement pour 
effectuer le dep6t du liquide. 

Cet evidement peut avoir la forme d'une fente allon- 
gee, ayant par exemple les dimensions suivantes : lon- 
gueur 50 mm, largeur 1 ,5 mm. 

L'invention concerne egalement un masque destine 
au depot, a I'etalement et a I'incubation 

de plusieurs iiquides sur un gel selon des surfaces 
d'incubation respectives Si 1 a Si n ou 
d'un liquide sur un gel selon plusieurs surfaces d'in- 
cubation S^ a Si n , n variant de 2 a 50, 

ce masque etant tel que sa surface inferieure comporte 
des deniveles ou des rainures, les deniveles ou rainures 
etant espaces les uns des autres pour delimiter plu- 
sieurs parties du masque Sht^ a Sm n , n variant de 2 a 
50, ne comportant aucune irregularity a leur surface, 
susceptible d'etre un obstacle a I'etalement du liquide 
sur les surfaces Si-, a Si n , et dont la projection sur le gel 
est superieure ou 6gale aux surfaces d'incubation S^ a 
Si n du gel, sur lesquelies le liquide doit etre etale, les 
deniveles et les rainures ayant une hauteur suffisante 
pour que le liquide puisse dtre maintenu par capillarity 
sur les susdites surfaces d'incubation Si 1 a Si n du gel. 

Ce cas correspond au depot de plusieurs Iiquides 
sur des surfaces d'incubation respectives ou d'un liqui- 
de sur plusieurs surfaces d'incubation a Si n . 

Pour assurer le depdt, I'etalement et i'incubation du 



liquide sur la surface Si, on peut envisager que I'orifice 
qui sert au depot ait un volume tel qu'il soit susceptible 
de constituer un reservoir presentant une capacite de 
retention du liquide en exces pour assurer I'etalement 

5 du liquide sur la surface d'incubation Si, meme si en 
cours d'incubation, une legere quantity de reactif s'est 
evaporSe (cf. Figure 6a). 

On peut proceder autrement pour assurer le dep6t, 
I'etalement et I'incubation du liquide sur la surface d'in- 

10 cubation Si. En effet, si le gel et le masque sont main- 
tenus sensiblement paralleles entre eux, il peut etre utile 
d'incliner I'ensemble gel et masque selon une rotation 
autour d'un axe sensiblement parallele a I'un des bords 
du gel ou a I'un des bords du masque, de telle sorte que 

15 le liquide descende par gravite en direction de la surface 
d'incubation Si qui doit dtre recouverte (cf. Figure 6b). 

On peut egalement, afin d'assurer le depot, I'etale- 
ment et I'incubation du liquide, maintenir le gel en posi- 
tion sensiblement horizontale et incliner legerement le 

20 masque par rotation autour d'un axe parallele a I'un des 
bords du masque ou a I'un des bords du gel, et situe au 
voisinage du bord de la surface d'incubation de telle sor- 
te que la distance entre le gel et le masque au niveau 
de cet axe soit plus faible que la distance entre le gel et 

25 le masque dans la zone opposee a cet axe (cf. Figure 
6c). 

Etant donne que les forces de capillarity sont plus 
importantes au voisinage de cet axe, le liquide se repar- 
tit par capillarite sur la surface d'incubation Si. 

30 L'invention a egalement pour objet un masque tel 
que d6crit precedemment dans lequel I'orifice de depot 
a un volume tel qu'il est susceptible de constituer un re- 
servoir presentant une capacite de retention du liquide 
en exces pour assurer I'etalement du liquide sur la sur- 

35 face d'incubation Si. 

Selon un mode de realisation du masque de l'inven- 
tion, I'orifice de depot a une forme allongee ou une for- 
me circulaire, de preference allongee et presente avan- 
tageusement une largeur d'environ 1 mm a environ 2 

40 mm, notamment 1 ,5 mm, et une longueur d'environ 4 
mm a environ 80 mm, notamment 5 mm. 

Selon un autre mode de realisation, I'evidement du 
masque est susceptible de contenir par capillarite un vo- 
lume de liquide au moins 6gal a V/1 0, V etant le volume 

45 existant entre la surface d'incubation Si et le masque, 
lorsque le masque et le gel sont positionn6s respective- 
ment I'un par rapport a Pautre dans des conditions telles 
que le liquide depose dans I'evidement s'etale sur le gel. 
Selon un autre mode de realisation de l'invention, 

50 I'orifice de depdt est situe au voisinage du milieu de la 
partie Sm du masque et a la forme d'une fente allongee, 
dont les dimensions sont telles qu'elle ne peut pas em- 
pdcher le liquide de se deposer sur la surface d'incuba- 
tion Si, et dont la longueur est avantageusement la lon- 

55 gueur de la surface d'incubation Si, la largeur avanta- 
geusement d'environ 1 mm a environ 2 mm, cet orifice 
de d6pot etant egalement susceptible d'assurer la fonc- 
tion de la fente destinee a permettre le retrait de I'exces 
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de liquide qui est etaie sur la surface Si. 

Selon un autre mode de realisation de I'invention, 
la fente destinee a permettre le retrait du liquide en ex- 
ces est sensiblement parallele a la largeur de la surface 
d'incubation et est positionnee de facon adjacente au 5 
bord de la surface d'incubation qui est oppose au voisi- 
nage de I'orifice de depot, et a avantageusement une 
largeur d'environ 1 mm a environ 4 mm, notamment 2 
mm, et une longueur superieure ou egale a la largeur 
de la surface Si, et la surface penpherique interne de la 
fente est perpendiculaire a la surface du masque et de 
preference inclinee par rapport a la direction perpendi- 
culaire de la surface du masque pour permettre la mise 
en contact directe des moyens permettant le retrait du 
liquide en exces avec ledit liquide en exces. 

Pour fixer les idees, I'inclinaison de la surface peri- 
pherique interne de la fente par rapport a la direction 
perpendiculaire a la surface du masque peut etre d'en- 
viron 30°. 

Selon un autre mode de realisation de ('invention, 
Pepaisseur du masque est d'environ 1 mm a environ 20 
mm, notamment d'environ 2 mm a environ 10 mm, et 
les deniveles ont une hauteur au moins egale a 0,2 mm, 
avantageusement d'environ 0,5 mm a environ 20 mm, 
ou les rainures ont une largeur suffisante pour que, pen- 
dant I'incubation, chaque liquide maintenu par capillari- 
ty entre le masque et une surface d'incubation Si ne se 
melange pas avec les liquides maintenus dans les sur- 
faces d'incubation qui sont directement adjacentes a Si, 
la largeur des rainures etant d'environ 1 mm a environ 
10 mm. 

Selon un autre mode de realisation de I'invention, 
le masque comporte plusieurs parties Sm de masque, 
avantageusement d'environ 6 a environ 50, chacune 
des parties Sm comportant un orifice de depot, de pre- 
ference situe dans la partie de Sm dont la projection sur 
le gel correspond a la partie anodique du gel, 
ce masque comportant une fente unique destinee a per- 
mettre le retrait de I'exces de liquide qui est etale sur les 
surfaces Si du gel, cette fente s'etendant de preference 
perpendiculairement par rapport a la plus grande des 
dimensions des parties Sm du masque, et etant de pre- 
ference situee dans le masque a une position telle que 
sa projection soit dans la region cathodique du gel. 

Les parties Sm sont avantageusement constitutes 
par des rectangles, ayant par exemple une longueur su- 
perieure ou egale a environ 10 mm a environ 80 mm et 
une largeur d'environ 2 mm a environ 80 mm. 

L'invention a egalement pour objet un masque tel 
que decrit prec6demment comportant une seule partie 
Sm, dont les dimensions sont super ieu res ou egales a 
cedes de Si, 

et comportant au voisinage de Tune de ses extremes 
un evidement ayant une forme allongee, et dont la lon- 
gueur correspond de preference a la largeur de la sur- 
face d'incubation Si et comportant egalement au voisi- 
nage de I'autre extremite, une fente destinee au retrait 
de I'exces de liquide, cette fente ayant avantageuse- 
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ment, comme longueur, au moins la largeur de Si. 

L'invention concerne egalement un masque com- 
portant des moyens de positionnement du masque par 
rapport au gel tels que la distance minimum entre le gel 
et la partie Sm du masque soit superieure ou egale a 
0,1 mm, et la valeur de la distance maximum soit d'en- 
viron 0,5 mm a environ 2 mm, notamment 1 mm. 

Ces moyens peuvent etre constitu6s par tout 
moyen de fixation, par exemple vis etc... On peut ega- 
lement envisager que le masque comporte, a sa peri- 
pheric des but6es susceptibles de reposer sur le gel, 
ces butees etant posit ion nees et ayant des dimensions 
telles qu'il n'y ait pas de contact entre la partie Sm du 
masque et la surface d'incubation Si. 

Selon un autre mode de realisation avantageux de 
l'invention, la surface superieure du masque et sa sur- 
face inferieure ne sont pas paralleles entre elles, mais 
torment un angle tel que, lorsque la surface superieure 
du masque est positionnee parallelement a la surface 
du gel, la distance minimum entre le gel et le masque 
soit superieure ou 6gale a environ 0,1 mm et la valeur 
de la distance maximum soit d'environ 0,5 mm a environ 
2 mm, notamment 1 mm. 

L'invention a aussi pour objet un masque realise de 
facon telle que i'orifice de depot et d'etalement du liquide 
coincide avec (est identique a) la fente destinee a per- 
mettre le retrait de I'exces de liquide. Cette realisation 
permet notamment d'envisager une automat isat ion plus 
aisee du dispositif de depot, d'etalement et d'incubation 
d'un ou plusieurs r6actifs sur un gel. 

L'orifice de d6p6t (orifice (1)) coi'ncidant dans ce 
mode de realisation avec la fente d'eiimination des reac- 
tifs, est reli6 au moyen de tuyaux et d'une vanne multi- 
canaux, aux differentes solutions de reactif a introduire 
ainsi qu'a un flacon "rejet" destine a recueillir les reactif s 
eiimines. Ces solutions sont vehiculees dans un sens 
ou dans I'autre au moyen d'une pompe. 

Dans ces conditions la fente distincte de i'orifice (1 ), 
precedemment decrite et permettant aprfcs la phase 
d'incubation, i'eiimination du r6actif par pompage au 
moyen d'un papier filtre introduit a ce niveau, n'est plus 
necessaire et est supprimee. 

Dans ces conditions I'orifice (1) peut avoir differen- 
tes formes, de preference avoir une forme circulaire de 
petit diametre avantageusement inferieur a 2mm et de 
preference inferieur a 1mm. 

Selon ce mode de realisation dans lequel I'orifice 
de depot sert egalement a eiiminer les reactifs apr£s in- 
cubation, il est avantageux que : 

1 ) la p6riph6rie de I'orifice (1 ) soit la partie de la sur- 
face Sm du masque, susceptible d'etre en contact 
avec les diverses solutions de reactifs, qui soit la 
plus proche de la surface du gel sans toutefois venir 
a son contact (ecartement minimum superieur ou 
6gal a 0,1mm) ; 

2) au fur et a mesure que Ton s'eloigne de cet orifice 
sur la surface Sm, que la distance gel masque aug- 
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mente ou a la limite reste constante. 

Dans I e cas ou le r6actif introduit possede des for- 
ces de cohesion analogues a celles de I'eau la distance 
maximum entre la surface du gel et celle du masque ne 
doit pas exceder 2mm (cet ecartement maximum pou- 
vant etre legerement augments ou diminue si les forces 
de cohesion du liquide introduit sont respectivement 
augmentees ou diminuees). 

Etant donne la planeite du gel, les contraintes 
d'ecartement minimum de 0,1mm au niveau de I'orifice 
(1) et d'autre part d'ecartement maximum d'environ 
2mm a la periph6rie de la zone d'incubation Si, definis- 
sent la forme de la surface Sm du masque qui se pr6- 
sente par exemple sous forme pyramidale centree ou 
excentree a base rectangulaire ou carree, ou encore 
sous forme d'une surface de revolution conique, centre 
ou excentree a base circulaire ou elliptique et dont le 
sommet correspond a I'orifice (1). 

Les angles au sommet de cette pyramide ou de cet- 
te surface de revolution conique dependent des dimen- 
sions de la surface Si du gel a incuber. 

Par exemple pour une surface d'incubation circulai- 
re de 90mm de diametre Tangle au sommet d'un mas- 
que ayant une surface Sm de forme conique centred a 
base circulaire doit se situer entre 175 et 179°. 

Dans ces conditions lors de I' introduction d'un reac- 
tif amene a I'orifice (1) au moyen de tuyaux et d'une 
pompe, le liquide va se repartir a la surface du gel a 
partir de I'orifice (1), les contours successifs des zones 
du gel recouvertes par le reactif etant les courbes de 
niveau d'equidistance de la surface Sm par rapport a la 
surface du gel qui est maintenu en position horizontale. 
Dans le cas ou la surface du masque est une surface 
de revolution conique centree a base circulaire ce se- 
ront des cercles concentriques centres sur I'orifice (1 ). 

II convient d'introduire les diffe rents reactifs 
exempts de bulle d'air (car a I'emplacement d'une bulle 
d'air le reactif n'etant pas en contact avec le gel I 1 incu- 
bation ne se ferait pas a ce niveau la) et a des debits 
suffisamment lents de I'ordre de (50 a 1000pJ/s) afin 
d'eviter d'endommager le gel en regard de Porifice (1) 
par suite de ('application de pressions hydrauliques in- 
compatibles avec la tenue mecanique du gel. 

Apres la phase d'incubation on recupere le reactif 
par I'orifice (1 ) au moyen de la pompe. L'orifice (1 ) etant 
la surface sur la zone la plus proche du gel c'est a ce 
niveau que les forces de capillarite pour le liquide intro- 
duit entre ie masque et le gel seront maximum et au fur 
et a mesure de Inspiration du liquide celui-ci va se as- 
sembler dans cette zone d'6cartement gel-masque mi- 
nimum. Lors de cette operation, les contours successifs 
des zones du gel encore recouvertes de liquide seront 
en ordre inverse les memes que ceux obtenus lors de 
I'introduction et correspondent aux courbes de niveau 
d'equidistance entre le masque et le gel. Dans la mesure 
ou I'aspiration du liquide est suffisamment lente (50uJ a 
"lOOOuJ/s) pour ne pas romp re la cohesion du liquide (et 
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cela surtout en fin d'aspiration) celui-ci sera aspire de 
facon continue et pratiquement totale. 

Pour que reiimination du reactif prealablement in- 
troduit soit la plus complete possible il importe : 

5 

1 ) que le diametre de I'orifice (1 ) affleurant a la sur- 
face du masque soit de petite dimension (diametre 
de I'ordre du millimetre) ; 

2) qu'il soit a faible distance de la surface du gel de 
10 0,1 a 1 mm et de preference de 0,2 a 0,6mm ; 

3) dans le but de maintenir fa cohesion de la der- 
niere goutte qui va etre aspiree et il est preferable 
que la surface du masque qui entoure la periph6rie 
de i'orifice (1 ) presents un meplat parallels a la sur- 
fs face du gel sur une zone de 10 a 200mm 2 de pre- 
ference de 25 a 100mm 2 . 

Dans ce mode de realisation on peut envisager de 
placer le masque en dessous de la surface du gel. 

Le gel etant maintenu par un moyen approprie (par 
exemple par aspiration sous vide au moyen d'une pla- 
que poreuse) en position horizontale face libre du gel 
dirigee vers le bas le masque se trouve alors en dessous 
et le fonctionnement de I'ensemble est analogue a celui 
precedemment decrit. 

II apparait neanmoins dans ces conditions que I'eli- 
mination de la demiere goutte de liquide pr6alablement 
introduit est facilitee puisqu'elle a en plus tendance par 
gravite a se rassembler au niveau de I'orifice (1 ) d'aspi- 
ration. 

Dans le cas ou un seul reactif est introduit selon ce 
precede sur un meme gel il convient de calibrer le volu- 
me de reactif deiivre par la pompe pour recouvrir la zone 
Si du gel devant etre incubee. 

Si la surface Si est egale a la surface du gel au dela 
du volume compris entre la surface du gel et la surface 
du masque en regard, un exces de reactif sera encore 
maintenu. Un exces de liquide supplemental peut 
neanmoins echapper aux forces de capillarite sans tou- 
tefois entrainer le reste de la solution compris entre les 
deux surfaces gel et masque. II suffit dans ces condi- 
tions d'avoir un systems de recuperation par exemple 
une gouttiere a la peripherie du masque avec un syste- 
me d'6vacuation de cet exces de reactif, pour que cela 
ne nuise en rien au processus de revelation. 

Dans le cas ou plusieurs reactifs differents sont in- 
troduits selon ce procede sur un mdme gel il est impe- 
ratif de ne pas avoir de melange de reactifs. 

Chacune des zones Sn^ , Sm 2 . .Snrij du masque cor- 
respondent aux differentes zones d'incubation Si^ Si 2 .. 
Sij du gel se pr6sente alors sous la forme de pyramide 
a base rectangulaire ou carre ou encore de surface de 
revolution conique centr6e ou excentree a base circu- 
laire ellipsoTdale ou rectangulaire etc... possedant cha- 
cune un orifice (1) a son sommet et separee les unes 
des autres par des rigoles et tous les orifices etant situ6s 
de preference a la meme distance du gel. 

Des pompes independantes injectent simultane- 
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ment (ou successivement) par chacun des orifices les 
volumes calibres des differents reactifs de facon a ce 
que les surfaces de gel Si^ Si 2 ..Sij soient recouvertes. 

Un exces de reactif peut etre tolere dans la mesure 
ou les differentes surfaces Sm^ Sm 2 ..Smj sont tegere- 
ment plus grandes que les surfaces Si-,, Si 2 ..Sij a incu- 
ber et que les ecartements gel masque au niveau de la 
p6riph6rie des zones Si lP Si 2 et Sij soient inf6rieurs a 
2mm (cela pour des liquides introduits dont les forces 
de cohesion sont analogues a celles de I'eau) pour per- 
mettre le maintien parcapillarite d'un 6ventuel exces de 
reactif au dela de cette peripherie. 

L'elimination des reactifs apres la phase d'incuba- 
tion se fait de la meme maniere que pr6c6demment de- 
crit. 

L'invention a egalement pour objet un ensemble 
comprenant un masque et un gel, permettant de r6aliser 
une incubation sur un gel prealablement soumis a une 
electrophorese ou permettant de faire des reactions 
crois6es (cross-dot). 

L'invention a egalement pour objet un ensemble 
comportant des moyens permettant que les parties Sm 
du masque soient suffisamment proches du gel pour 
que le liquide destine a etre Stale" sur les surfaces d'in- 
cubation Si so it maintenu parcapillarite sur les surfaces 
d'incubation Si du gel en projection des parties Sm du 
masque et pour que les parties Sm du masque soient 
paralleles au gel ou soient inclinees par rapport au gel, 
de preference selon un angle d'environ 0,5 a environ 3°, 
avantageusement d'environ 1 ,5°, la distance minimum 
entre le masque et le gel etant avantageusement au voi- 
sinage de la fente et la distance maximum entre le mas- 
que et le gel etant avantageusement au voisinage de 
I'orifice de depdt. 

L'invention concerne egalement un precede de de- 
pot, d'etalement et d'incubation d'un ou plusieurs liquide 
(s) sur un gel (de surface Sg) selon une ou plusieurs 
zone(s) determiners) du gel, ci-apres design6(s) par 
"surface d'incubation Si", caracterisd en ce que 

on positionne un masque, selon l'invention, par rap- 
port au gel, de facon a ce que la partie Sm du mas- 
que soit suffisamment proche de la surface d'incu- 
bation Si, pour que le liquide destine a etre 6tal6sur 
la surface Si soit maintenu par capillarity sur ladite 
surface Si, et en ce que : 

on introduit le liquide dans I'orifice de depot defini 
ci-dessus, 

on maintient le masque par rapport au gel dans la 
position telle qu'indiquee ci-dessus, ou, si le mas- 
que et le gel sont paralldles entre eux, on incline le 
masque par rapport au gel pour que le liquide se 
repartisse par capillarity sur la surface Si, ou on in- 
cline I'ensemble gel et masque par rapport a I'hori- 
zontale de facon a ce que le liquide se repartisse 
sur la surface d'incubation Si par gravity, pendant 
un temps suffisant pour que la reaction entre le li- 
quide et les composants, notamment prolines, de- 



poses sur le gel, notamment par electrophorese, 
puisse avoir lieu, 

a Tissue de I'incubation, on retire I'exces de liquide 
eta!6 sur la surface d'incubation determined du gel 
5 par des moyens disposes a travers la fente definie 
precydemment, notamment a I'aide de papier filtre, 
on retire le masque du gel. 

L'invention a egalement pour objet un precede dans 

10 lequel ie masque est maintenu parallele par rapport au 
gel, et I'ensemble est incline selon un angle suffisant par 
rapport a I'horizontale, pour que le liquide s'etale par 
gravity sur la surface d'incubation Si, et avantageuse- 
ment selon un angle allant d'environ 5° a environ 90°, 

15 avantageusement d'environ 30°. 

L'invention concerne ygalement un precede dans 
lequel le masque est maintenu selon un angle suffisant 
par rapport au gel pour que le liquide s'etale par capil- 
larity sur la surface d'incubation Si, et notamment selon 

20 un angle d'environ 0,5 a environ 3°, avantageusement 
d'environ 1,5°. 

L'invention a pour objet un appareil d'SIectrophore- 
se caracterisS en ce qu'il comporte un masque tel que 
decrit precedemment, destiny a I'etalement et a I'incu- 

25 bation d'un ou de plusieurs reactifs. 

L'invention peut etre illustree a ia lumiere de la des- 
cription qui suit. 

Ce nouveau type de masque de l'invention (masque 
flottant ou masque suspendu) peut etre constitue d'une 

30 pfece plastique, plane et rigide, de preference transpa- 
rente (Plexiglas par exemple) ayant par exemple une 
6paisseur d'environ 2 a environ 10 mm et dans laquelle 
la surface inferieure comporte au moins une partie Sm 
dont la surface correspond au moins a celle de ia sur- 

35 face du gel a recouvrir par le reactif, encore appelee 
"surface d'incubation Si". Cette piece plastique est per- 
cee de part en part et perpendiculairement a sa surface 
d'un orifice de depot, de preference de forme allongee 
situy a rinte* rieur ou a Pext6rieur de la zone d'incubation. 

40 Cet orifice de depdt permet I'introduction des ryactifs au 
moyen d'une pipette. 

La partie Sm de la surface infyrieure de la piece 
plastique correspondant a la surface d'incubation est 
caract6ris6e par le fait qu'elle ne pr6sente pas d'irr6gu- 

45 larites de surface (polissage). Elle est disposSe par des 
moyens de maintien appropries a proximite de la surfa- 
ce du gel, soit parallelement a celle-ci, soit avec une 
ieg6re inclinaison, mais sans qu'il y ait contact entre la 
surface d'incubation Si et la partie Sm du masque. 

50 Etant donne la faible distance entre la surface du 
gel et la surface plastique (de 0,1 a 2 mm), le liquide 
introduit au moyen d'une pipette par I'orifice de depot se 
repartit par capillarity entre les deux surfaces planes 
(partie Sm et surface du gel) et vient recouvrir la zone 

55 du gel se trouvant en projection au-dessous de la partie 
Sm de la piece plastique. 

Le volume introduit doit dtre au moins 6gal au vo- 
lume Vo de I'espace degage entre les deux surfaces 
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pour que la surface d'incubation Si soit recouverte. 

Un exces de liquide (reactif) par rapport a ce volume 
Vo pouvant aller jusqu'a 1,2 ou 1,3 fois; le volume Vo 
etant pref6re\ En effet, il permet d'assurer le recouvre- 
ment du gel selon la surface d'incubation Si, meme si 
une I6gere Evaporation du r6actif se produit lors de la 
phase d'incubation. 

En effet, cet exces de r6actif va §tre principalement 
maintenu par capillarity au niveau de I'orifice de depot, 
dans la mesure ou celui-ci se pr6sente sous une forme 
allongee de faible largeur (1 a 2 mm) (pour que les phy- 
nomenes de capillarity s'y developpent) et de longueur 
suffisante (supyrieure ou 6gale a 4 mm) pour assurer 
un volume suffisant de liquide maintenu par capillarity 
(voir exemples ci-apres). 

Si Ton ajoute, par I'orifice de depot, une quantity de 
r6actif lygerement supyrieure (x 1 , 1 ) a la somme du vo- 
lume Vo et du volume de liquide susceptible d'etre main- 
tenue par capillarity au niveau de I'orifice de depot, cet 
exces se rypartit de facon homogene a la pe>iph6rie de 
la surface d'incubation de la piece plastique, entratnant 
une I6gere augmentation de la surface du gel soumise 
a Pincubation, mais cela de facon reguliere, cet exces 
etant toujours maintenu au niveau de la piece plastique 
par capillarity. 

Dans le cas de I'utilisation d'un seul reactif, le seul 
inconvynient est une consommation inutile de reactif. 

Dans le cas d'incubation de zones adjacentes avec 
des reactifs differents, il suffira que I'espacement entre 
les surfaces d'incubation contigues soit suffisant pour 
toldrer cette augmentation de surface traitye, sans qu'il 
y ait risque que les surfaces traitees par deux reactifs 
differents se rejoignent. 

De toute facon, rycartement entre les zones doit 
etre superieur ou egal a 2 ou 3 mm, pour que les phe- 
nomenes de diffusion des ryactifs dans le gel se produi- 
sant pendant la phase d'incubation (5' a 30') n'aboutis- 
sent pas a des interactions entre les differents ryactifs 
qui ont diffuse dans le gel. Pour des temps d'incubation 
plus longs, par exemple 1 h, un espacement supyrieur 
ou ygal a 4 ou 5 mm sera nycessaire, mais cela est yga- 
lement vrai pour les autres types de procydy prycydem- 
ment utilises. 

La forme allongye de I'orifice de dypdt, outre le r5le 
de r6serve de reactif mentionnee plus haut, presents 
I'avantage de permettre une introduction facile du reactif 
sur le gel, par exemple en faisant couler le iiquide sur 
la paroi verticale de I'orifice, a une extremity de celui-ci. 

Dans le cas d'un orifice circulaire de rndme diame- 
tre que la largeur de I'orifice precedent, il faut assurer 
une ytanchyity par friction entre I'embout de section cir- 
culaire de la pipette et I'orifice, et injecter avec un lege re 
pression le reactif a la surface du gel, cette pression 
ayant une valeur telle qu'elle soit ygale ou supyrieure a 
celle nycessaire a vaincre les forces de capillarity qui 
se d6veloppent au niveau de I'orifice circulaire de faible 
section. Dans ce cas, il est avantageux que la surface 
Sm soit supyrieure a Si et que le volume de quantity 
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injectye soit inf yheur au volume compris entre la surface 
Sm et le gel. 

La largeur de I'orifice de dep6t est telle que Pextre- 
mite de I'embout tronconique d'une pipette puisse y pe- 
5 netrer sans toutefois lui permettre de descendre au-dela 
du plan de la surface plastique situe en regard du gel. 
L'extrymity de la pipette ne peut done en aucun cas ve- 
nir endommager la surface du gel lors de I'introduction 
des ryactifs. 

10 Un autre avantage du dispositif du masque suspen- 
du est que les phynomenes d'yvaporation pouvant sur- 
venir lors de I'incubation sont extremement reduits, 
puisqu'ils ne peuvent se produire qu'a la periphyrie de 
la surface d'incubation et au niveau de I'orifice de depot. 

is Apres la phase d'incubation, il convient d'yiiminer 
le reactif en exces. 

Dans le cas ou plusieurs ryactifs sont utilises sur 
des zones contigues, on peut proceder comme suit. 
Les differentes surfaces d'incubation sont gynera- 

20 lement des rectangles dont les grands cdtys sont paral- 
lels et les petits catys sont colineaires. 

En pratiquant le long de ces petits cotys une fente 
allant de part et d'autre de la piece plastique, on peut 
introduire par celie-ci une feuilte de papier filtre venant 

25 s'appliquer sur le gel et affleurer le liquide maintenu en- 
tre !e masque plastique et le gel. Par capillarity, le liqui- 
de monte dans le papier filtre et est evacue de la ou des 
surfaces d'incubation. 

Cependant, pour faciliter cette evacuation du liqui- 

30 de par pompage au moyen de papier filtre, on a interet 
a ce que le masque suspendu ne soit pas parfaitement 
parallele au gel, mais fasse un diedre avec un trds petit 
angle 1 a 2°, diedre dont I'arete est du cote ou Ton veut 
pomper le liquide par le papier filtre. En effet, dans ces 

35 conditions, les forces de capillarity sont plus importan- 
tes du cote ou la distance gel-masque est la plus faible 
et le liquide interpose entre ces deux surfaces a tendan- 
ce a s'y rassembler et done a faciliter son elimination 
par le papier filtre, lorsque celui-ci est introduit dans la 

40 fente destinye a cet effet. 

DESCRIPTION DES FIGURES 

La Figure 1 represente une vue en coupe et une 
45 vue de dessus d'un masque de ['invention destiny 
au depot, a I'ytalement et a Pincubation d'un seul 
liquide sur une surface d'incubation Si. 

(1) reprysente I'orifice de dypot et (2) repre- 
sente la fente destinye a pomper Pexces de reactif. 

so 

Sm reprysente la surface utile du masque delimi- 
tee, sur un c6te par la fente (2), et sur chacun des trois 
autres cdtys par un deniveie. 

55 - La Figure 2 represente : 

* une vue en coupe C-C selon la direction d'une 
rainure, 
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* une vue en coupe D-D passant par un orifice 
de depot, et 

* une vue de dessus 

d'un masque destine a recevoir plusieurs liquides de- 
vant recouvrir difterentes surfaces d'incubation, en Poc- 
currence six. 

(1) correspond aux differents evidements, (2) cor- 
respond a la fente et (3) correspond aux rainures des- 
tinies a delimiter les difterentes surfaces d'incubation 
S^ a Si 6 . Les surfaces utiles Sn^ a Sm 6 correspondant 
aux surfaces d'incubation Sij a Si 6 sont indiquees. 

Les Figures 3a et 3b represented un ensemble gel- 
masque destine au depdt d'un seul reactif sur la to- 
taiite du gel. 

Dans ces deux figures, (1) represente I'orifice 
de depot. Le perimetre du masque est en pointilles 
et le perimetre du gel est en traits pleins. 

La fente, non representee, destrtee a pomper 
le liquide soit est adjacente au bord de Si oppose 
au voisinage de I'orifice de d6p6t (pour Figure 3a), 
soit est situee a Pinterieur de St (pour Figure 3b). 

La partie hachuree correspond a (a surface 
d'incubation Si, qui, dans ces deux cas, est egale a 
la surface Sgdu gel. 

La Figure 3a represente le cas ou la surface 
utile du masque Sm est superieure a la surface 
Sg du gel. 

La Figure 3b represente le cas ou la surface 
utile Sm du masque est egale a la surface Sg 
du gel. 

Les Figures 4a, 4b et 4c represented un ensemble 
gel-masque pour le depot d'un seul reactif sur une 
partie de la surface Sg du gel. Dans ces cas, la sur- 
face d'incubation Si est inferieure a la surface Sg 
du gel. 

Le perimetre du masque est en pointings et le 
perimetre du gel est en traits pleins. 

La partie hachuree correspond a la surface 
d'incubation Si. 

Dans ces trois Figures, (1) represente I'orifice 
de depot. 

Dans ces trois Figures, la fente destinee a pom- 
per I'exces de liquide est situee au voisinage de 
I'axe xx'. 
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zz' correspond a la limite superieure du 

gel. 

La Figure 4b correspond au cas ou la surface 
utile Sm du masque est egale a la surface d'in- 
5 cubation Si, et la surface utile Sm du masque 

est inferieure a la surface du gel Sg, I'orifice (1 ) 
de depot etant a Pinterieur de Si. 

xx' correspond a la limite interieure de Si. 
La Figure 4c correspond au cas ou la surface 
io utile Sm du masque est superieure a la surface 

d'incubation Si, et la surface utile Sm du mas- 
que est interieure a la surface Sg du gel. L'ori- 
fice de depot est a I'interieur ou a I'exterieur de 
la surface d'incubation Si. 
15 xx' correspond a la limite inferieure de Si 

ou de Sm. 

yy' correspond a la limite superieure de 

Si. 

zz' correspond a la limite superieure de 

20 Sm. 

Les Figures 5a et 5b represented le cas de plu- 
sieurs reactifs ou d'un m§me reactif sur plusieurs 
surfaces d'incubation distinctes S^ a Si n d'un meme 
25 gel. 

Les orifices de depdt sont designed par (1 ). Les sur- 
faces d'incubation Si 1 a Si n sont hachutees. La surface 
du gel est delimitee par les traits pleins et les surfaces 
30 utiles Sm 1 a Sm n du masque sont delimitees par les 
traits pointilles. 

Dans la Figure 5a, 
xx' represente I'alignement des bords interieurs 
des surfaces d'incubation S^ a Si n . 
35 Dans la Figure 5b, 

xx' represente I'alignement des bords interieures 
des surfaces d'incubation Si-, a Si n ; 
yy' represente I'alignement des bords superieurs 
40 des surfaces d'incubation S^ a Si n ; 

zz' represente I'alignement des bords superieurs 
des surfaces Sm 1 a Sm n . 

Dans les Figures 5a et 5b, la fente, non repr6sen- 
45 tee, est au voisinage de I'axe xx'. 

Les Figures 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g 6h et 6i repre- 
sented des schemas en coupe de difterentes con- 
figurations possibles des masques de I'invention. 

La Figure 6a correspond au cas ou la surface Sm 
est plane et parallele au gel, le gel et la surface Sm etant 
en position horizontale. 

On a represente par (1) I'orifice d'introduction du 
reactif, par (e) la distance separant la surface Sm du gel 
et par des hachures la surface Si devant etre soumise 
a incubation. Dans ce cas, le volume de reactif a intro- 
duce doit etre superieur ou 6gal a Sm x e. 



Plus precisement, la Figure 4a correspond au 50 
cas ou la surface utile Sm du masque est su- 
perieure a Si et la surface utile Sm du masque 
est superieure a Sg, I'orifice de depdt (1) 6tant 
a I'interieur ou a I'exterieur de Si. 

xx' correspond a la limite interieure de la 55 
surface Si. 

yy' correspond a la limite superieure de 

Si. 
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On note que la surface Sm est limited, d'une part, 
par iafente (2) destines a pomper I'exces de liquide, et, 
d'autre part, par une partie en denivele concave. 

La Figure 6b represente le cas ou la surface Sm est 
parallele au gel, comme indique dans la Figure 6a, a la 
seule difference que I'ensemble gel et masque est incli- 
ne du cote de la fente (2) destinde a pomper I'exces de 
liquide, Tangle forme entre I'ensemble masque et gel par 
rapport a Phorizontal etant d'environ 15°. Dans ce cas, 
le volume du reactif introduit doit etre superieur ou egal 
a Six e. 

La Figure 6c represente le cas ou la surface Sm fait 
un petit angle d'environ 1 a environ 2° avec le gel, qui 
lui-meme est en position horizontale. On a represente 
par (e1) la distance minimale entre Sm et la surface Si, 
et par (e2) la distance maximale entre Sm et Si. Dans 
ce cas, le volume du reactif introduit est superieur ou 
egalaSix tel^ . 

La Figure 6d correspond au cas ou le masque est 
constitue par une surface superieure plane et une sur- 
face inferieure plane, qui torment un angle entre eiles 
(diedre). On a represente par (e1 ) la distance minimale 
entre Sm et Si et par (e2) la distance maximale entre 
Sm et Si. 

Dans ce cas, le volume du reactif introduit est su- 
perieur ou egal a Si x f e1 | e2 > . 

La Figure 6e correspond au cas ou le masque est 
constitue par deux surfaces planes formant entre eiles 
un angle (diedre). Dans ce cas, la surface Sm du mas- 
que est egale a (S'm + S"m). La surface S'm est la sur- 
face qui est parallele au gel, qui lui-meme est en position 
horizontale, et la surface S"m fait un angle a avec la 
surface S'm. La distance minimale entre la surface S"m 
et la surface Si est e1 et la distance entre la surface S'm 
et la surface Si est e2. Dans ce cas, le volume du reactif 
introduit est superieur ou egal a S'm x e2 avec en plus 
la condition que : 

S'm x e2 £ (Si - S"mcosoc)e2 + S"mcosa ( e1 ± e2 ) 

Sur la Figure 6e, on a represente le cas ou la sur- 
face d'incubation va jusqu'a la fente (2), mais on pourrait 
egalement envisager que la surface d'incubation s'arre- 
te a Intersection (3) des surfaces S'm et S'm. Cette 
configuration est representee sur la Figure 6f. 

En effet, dans ces conditions, la quantite de reactif 
par unite de surface etale sur la zone d'incubation est 
constante, ce qui n'est pas le cas de I'exemple 6e. 

Or, cette Constance de la quantite de reactif par uni- 
te de surface du gel soumis a I'incubation peut etre ne- 
cessaire principalement lorsque I'incubation est prolon- 
g6e (parce que la cinetique de la reaction d'incubation 
est lente) et que le reactif n'est pas en fort exces par 
rapport aux besoins de la reaction. 

Dans ces conditions, pour obtenir le meme resultat 
quelle que sort la position de la zone d'incubation, on a 
interet a avoir au niveau de la zone d'incubation une 
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equidistance entre le gel et le masque. La zone corres- 
pondant au retrecissement de I'espace gel-masque est 
soumise a incubation, bien que cela ne soit pas n6ces- 
saire, puisqu'elle est, dans ce cas, exterieure a la zone 
5 d'incubation et enframe une legere surconsommation 
de reactif. 

La Figure 6g correspond au cas d'un masque avec 
une surface plane S'm parallele au gel en position hori- 
zontale prolongee par une surface S"m cylindrique de 
10 rayon R, tangente a la surface S'm. Le rayon R est du 
meme ordre de grandeur ou superieur a la longueur Li 
de Si. (1 ) represente I'orifice de depot et (2) la fente. 

Les Figures 6h et 6i correspondent au cas d'un 
masque dans lequel la surface superieure et la surface 
15 inferieure comportent toutes les deux une surface cylin- 
drique. 

Lorsque la surface superieure est concave, on se 
reporte a la Figure 6h et lorsqu'elle est convexe, on se 
reporte a la Figure 6i. 
20 Dans les deux cas, le diametre des surfaces cylin- 
driques inf6rieures est superieur au carre de la longueur 
Li de Si. 

Les figures 7a, 7b et 7c illustrent un ensemble gel- 
25 masque dans lequel le masque est realise de telle 
facon que I'orifice de depot du ou des reactif s, cons- 
titue egalement I'orifice (appeie fente lorsqu'il se 
distingue de I'orifice du depot) pour relimination des 
reactif s apres I'incubation. Le gel est couie sur un 
30 support plastique. 

Dans le cas des figures 7a, 7b et 7c, la face infe- 
rieure du masque est inclinee par rapport a la surface 
du gel, elle-meme parallele a la surface superieure du 
35 masque. 

Dans le cas des figures 7b et 7c, le gel est place au 
dessus du masque. Dans ce cas, le gel est maintenu a 
proximite du masque sans etre en contact avec ce der- 
nier, par exemple au moyen d'un dispositif par aspiration 
40 sous vide (5) par exemple une plaque perforee relive a 
une prise de vide. Le gel a done sa face vers le bas. 
Notons que quel que soit le mode de realisation, s'agis- 
sant de la position relative du masque par rapport au 
gel, la face du gel correspond a la surface de ce gel sur 
45 laquelle se produit I'incubation et les surfaces dites in- 
ferieure et superieure du masque, correspondent dans 
tous les cas, a la surface la plus proche du gel (pour la 
surface inferieure du masque) et a la surface la plus eloi- 
gnee du gel (pour la surface superieure du masque). 
so Dans ce mode de realisation, les reactifs sont ame- 
nds vers la surface de depot et d'incubation, au moyen 
d'une pompe approvisionnee en reactifs par des canaux 
ou des tuyaux (4) (multicanaux pour d iff 6 rents reactifs). 
La figure 7c illustre un dispositif gel-masque per- 
55 mettant le depdt, I'etalement et I'incubation de reactifs 
au niveau de plusieurs surfaces separ6es du gel. 
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EXEMPLES 

Exemple I : Masque destiny au d6p6t, a I'etalement et 
a I'incubation d'un seul reactif sur la totality de la surface 
du gel : 

Dans ces conditions, la surface du gel peut etre soit 
inferieure a la surface Sm du masque (Figure 3a), soit 
egale a la surface Sm du masque (Figure 3b). 

Lorsque le gel est en position horizontale et paral- 
lel a la surface inferieure du masque, la distance entre 
le gel et !e masque est e. Par consequent le volume de 
reactif a introduire est au moins egal a Si x e = Sg x e. 

Dans le cas d'un exces de ryactif qui peut etre ne- 
cessaire pour compenser les pertes dues a ('evapora- 
tion lors de I'incubation, celui-ci se repartit d'une part au 
niveau de I'orifice de d6p6t, dans la mesure ou celui-ci 
a des dimensions telles que peuvent se developper des 
forces de capillarite, et, d'autre part, r6gulierement a la 
peripheric de Si. 

Exemple II : Masque pour le dep6t, l'6talement et I'incu- 
bation d'un reactif unique sur une partie du gel : 

On peut envisager la configuration suivante. 

La surface Sm du masque est superieure a la sur- 
face d'incubation Si et la surface du masque Sm est su- 
perieure ou 6gale a la surface Sg du gel, I'orifice de de- 
pot etent a I'interieur ou a I'exterieur de la surface d'in- 
cubation Si (Figure 4a). 

Si le gel et le masque sont paralleles entre eux et 
separes par une distance e, le volume de reactif introduit 
est Si x e. 

Pour assurer la presence du reactif sur la zone d'in- 
cubation Si, I'ensemble gel et masque peut etre incline 
par rotation autour d'un axe para I Idle a xx', de telle sorte 
que le reactif descende par gravity du cote de la zone 
du gel a recouvrir, c'est-a-dire entre xx' et yy\ 

Afin d'assurer le recouvrement de la surface d'incu- 
bation Si par le reactif, une autre possibility est de main- 
tenir le gel en position horizontale et d'incliner tegere- 
ment ie masque par rotation autour d'un axe parallele a 
xx', de telle sorte que la distance gel-masque e 1 au ni- 
veau de xx' soit plus faible que la distance gel-masque 
e 2 au niveau de yy'. Les forces de capillarite etant plus 
importantes au voisinage de xx', le reactif se repartit par 
capillarity entre xx' et yy'. 

Dans ce cas, le masque fait alors avec le plan du 
gel un angle a. Si Li est la distance en mm entre xx* et 
yy', tga est inferieur ou 6gale a -ft. 

Dans ces conditions, le volume de reactif a introdui- 
re pour recouvrir Si est : 

Si \ 

e 1 etant superieur ou egal a 0,1 mm car ii ne taut pas 



22 

cr6er de contact entre le gel et le masque, 

e 2 6tant infdrieurou 6gal a 2 mm pour que les forces de 

capillarity soient suffisantes. 

Un exces de reactif permettant de compenser les 
5 effets de Evaporation pouvant se produire lors de I'in- 
cubation, se repartit a parti r de yy 1 , entre yy' et zz'. 

Exemple III : Masque pour le depot, I'etalement et I'in- 
cubation d'un reactif unique sur une partie du gel : 
10 * ~™ 

La surface Sm du masque est egale a la surface 
d'incubation Si, et la surface Sm du masque est infe- 
rieure a la surface Sg du gel, I'orifice de depot etant a 
I'interieur de la surface d'incubation (Figure 4b). 
is Si le gel est en position horizontale et est parallele 
au masque, a la distance e, le volume de liquide a in- 
troduire est Si x e = Sm x e. 

Un leger exces de reactif se repartit d'une part au 
niveau de I'orifice de depot (s'il possede des dimensions 
20 appropriees pour que s*y developpent des forces de ca- 
pillarite) et d'autre part regulierement a la periphSrie de 
Si. Dans ce cas, il n'est pas necessaire d'avoir a incliner 
I'ensemble gel et masque, ni de creer un angle entre le 
plan du gel et celui du masque. 

25 

Exemple IV : Masque pour le depot, Tetalement et I'in- 
cubation d'un reactif unique sur une partie du gel : 

La surface Sm du masque est superieure a la sur- 
30 face d'incubation Si, et la surface Sm du masque est 
inferieure a la surface Sg du gel, I'orifice de dep6t ytant 
a I'interieur ou a I'exterieur de la surface d'incubation 
(Figure 4c). 

35 a) Si le gel et le masque sont paralleles, separes 
par une distance e, le volume de reactif introduit est 
Sixe. 

Pour assurer la presence du reactif entre xx' et 
yy', I'ensemble gel et masque est incline par rotation 
40 autour d'un axe parallele a xx', de telle sorte que xx' 
soit en position plus basse que yy' et que le liquide 
descende par gravity jusqu'a xx' et se rassemble 
entre xx* et yy'. 

L'angle maximum autorise pour que le liquide 
45 reste maintenu par capillarity entre xx' et yy' est 
d'autant plus important que la distance e est plus 
faible. II peut theoriquement etre de 90°, pour une 
distance e de 0,2 mm, dans le cas ou la distance Li 
entre xx' et yy' n'excede pas 7,5 cm et si le reactif 
so est de i'eau (loi de Jurtn). 

b) Si le gel est en position horizontale, pour assurer 
la prysence du ryactif entre xx' et yy', le masque 
peut etre legerement incline. Ceci peut §tre fait de 
telle sorte que I'ecartement gel-masque au ni- 
55 veau de xx' soit plus faible que recartement e 2 au 
niveau de yy' (cf. exemple II). Le volume de ryactif 
est alors : 
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Exemple V : Cas de la repartition de plusieurs rdactifs, 
ou eventuellement d'un meme reactif, mais sur plu- 
sieurs surfaces distinctes d'incubation d'un meme gel : 

Ce dernier cas (meme reactif sur plusieurs surfaces 
distinctes) peut etre envisage pour limiter laconsomma- 
tion de reactif. 

Si le gel et le masque sont horizontaux et paralleles 
entre eux, s6par6s d'une distance e, le volume de reactif 
a introduire sur chaque surface d'incubation (Si 1 a Si n ) 
est S^ x e, Si 2 x e, etc ... (Figure 5a). 

Cet exemple est analogue a I'exemple III. 



Exemple VI : Cas de la repartition de plusieurs rSactifs, 
ou eventuellement d'un meme r6actif, mais sur plu- 
sieurs surfaces distinctes d'incubation d'un mfime gel : 

a) Si le gel et le masque sont paralleles entre eux, 
s£pares d'une distance e, on se retrouve dans des 
conditions analogues a celle de I'exemple I Va. 

b) Si le gel est en position horizontale et si le mas- 
que est legerement incline, on se retrouve dans des 
conditions analogues a celle de I'exemple IVb. 



Revendications 

1. Masque rigide destine au depdt, a retalement et a 
I'incubation d'un ou plusieurs liquide(s) sur un gel 
de surface totale Sg selon une ou plusieurs zone(s) 
d6terminee(s) du gel, ci-apres designee(s) par "sur- 
face d'incubation Si", ce masque comportant : 

une surface superieure et une surface interieu- 
re, la distance s6parant la surface inferieure et 
la surface superieure constituant I'epaisseur du 
masque, 

au moins un orifice (1) destine a permettre le 
d6pot et retalement du liquide sur la surface 
d'incubation Si du gel, et constitue par un 6vi- 
dement traversant le masque sur la totalite de 
son epaisseur, et/ou 

au moins une fente (2) traversant le masque sur 
la totalite de son epaisseur et destinee a per- 
mettre le retrait de I'exces de liquide present sur 
la surface d'incubation Si du gel, cette fente 
etant situ6e dans la partie du masque dont la 
projection est appel6e a se trouver soit dans la 
surface d'incubation Si, soit en dehors de la 
surface d'incubation Si, 
des moyens de positionnement du masque, 
destines a maintenir sa surface inferieure a une 
distance determinee de la surface Sg du gel a 
proximite duquel le masque serait amen6, dans 
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des conditions telles qu'ils empechent le con- 
tact entre la surface inferieure du masque et la 
surface d'incubation Si, lorsque le masque est 
a proximite du gel et que le liquide est depose 
sur le gel, cette surface inferieure etant en outre 
telle qu'elle ne comporte, sur au moins une par- 
tie d'elle-meme designee par Sm, aucune irre- 
gularity a sa surface susceptible d'etre un obs- 
tacle a retalement du liquide sur la surface d'in- 
cubation Si, la surface Sm etant d6limitee par 
rapport au reste de la surface inferieure, de tel- 
le sorte que le liquide ne puisse s'etaler que sur 
la surface Si du gel en projection de Sm, cette 
projection de Sm sur le gel etant superieure ou 
egale a la surface d'incubation Si du gel. 

Masque selon la revendication 1 , dans lequel la sur- 
face Sm est plane ou incurvee, de diametre supe- 
rieur ou egal au carre de la longueur de la surface 
d'incubation, ou est composee de facettes eiemen- 
taires, planes ou incurv6es, raccordees entre elles, 
ces differentes facettes, ainsi que leurs raccords, 
etant tels qu'il n'y a pas obstacle a retalement du 
liquide sur la surface d'incubation Si. 

Masque selon la revendication 2, dans lequel la sur- 
face Sm est cylindrique ou est composee de facet- 
tes eiementaires cylindriques. 

Masque selon la revendication 1 , destine au depot, 
a retalement et a I'incubation d'un ou plusieurs li- 
quides, dans lequel la surface inferieure du masque 
comporte au moins deux deniveies ou deux rainu- 
res (3), les deniveies ou rainures etant espac6s les 
uns des autres pour delimiter au moins une partie 
du masque Sm, laquelle ne comporte aucune irre- 
gularite a sa surface, susceptible d'etre un obstacle 
a retalement du liquide sur la surface d'incubation 
Si, et dont la projection sur un gel est egale ou su- 
perieure a une surface d'incubation Si du gel sur 
laquelle le liquide peut etre etaie, les deniveies et 
les rainures ayant une hauteur suffisante pour que 
le liquide puisse etre maintenu par capillarite sur la 
susdite surface d'incubation Si du gel. 

Masque selon la revendication 1 , destine au depot, 
a retalement et a I'incubation d'un seul liquide com- 
portant un seul orifice (1) traversant le masque, 
destine a permettre le depdt, retalement et I'incu- 
bation d'un seul liquide sur un gel selon une surface 
d'incubation Si du gel. 

Masque selon la revendication 1 , destine au d6p6t, 
a retalement et a I'incubation 

de plusieurs liquides sur un gel selon des sur- 
faces d'incubation respectives S^ a Si n ou 
d'un liquide sur un gel selon plusieurs surfaces 
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d'incubation Si! a Si n , n variant de 2 a 50, 

ce masque etant tel que sa surface inferieure com- 
porte des deniveles ou des rainures (3), les denive- 
les ou rainures etant espaces les uns des autres 
pour delimiter plusieurs parties du masque Sm, a 
Sm n , n variant de 1 a 50, ne comportant aucune 
irregularis a leur surface, susceptible d'etre un obs- 
tacle a I'etalement du liquide sur les surfaces Si 1 a 
Si n , et dont la projection sur le gel est superieure ou 
egale aux surfaces d'incubation Si., a Si n du gel, sur 
lesquelles le liquide doit etre etale, les deniveles et 
les rainures ayant une hauteur suffisante pour que 
le liquide puisse etre maintenu par capillarity dans 
les susdites surfaces d'incubation a Si n du gel. 

7. Masque selon I'une quelconque des revendications 
1 a 6, dans lequel I'orifice de depot (1 ) a un volume 
tel qu'il est susceptible de constituer un reservoir 
pr£sentant une capacite de retention du liquide en 
exces pour assurer I'etalement du liquide sur la sur- 
face d'incubation Si. 

8. Masque selon I'une quelconque des revendications 
1 a 6, dans lequel I'orifice de depot (1 ) a une forme 
allongee ou une forme circulaire. 

9. Masque selon I'une quelconque des revendications 
1 a 8, dans lequel I'orifice de depot (1 ) est situe au 
voisinage du milieu de la partie Sm du masque et a 
la forme d'une fente allongee, dont les dimensions 
sont telles qu'elle ne peut pas empecher le liquide 
de se deposer sur la surface d'incubation Si, cet ori- 
fice de depot etant egalement susceptible d'assurer 
la fonction de la fente destinee a permettre le retrait 
de I'exces de liquide qui est etale sur la surface Si. 

1 0. Masque selon la revendication 9, dans lequel la lon- 
gueur de I'orifice de d6p6t est la longueur de la sur- 
face d'incubation Si, et sa largeur est d'environ 1 
mm a environ 2 mm. 

1 1 . Masque selon I'une quelconque des revendications 
1 a 8, dans lequel la fente (2) destinee a permettre 
le retrait du liquide en exces est sensiblement pa- 
rallel a la largeur de la surface d'incubation et est 
positionnee de facon adjacente au bord de la sur- 
face d'incubation qui est oppose au voisinage de 
I'orifice de dep6t (1) et la surface peripherique in- 
terne de la fente est perpendiculaire a la surface du 
masque. 

12. Masque selon la revendication 11, caracterise en 
ce que la largeur de la fente est d'environ 1 mm a 
environ 4 mm, notamment 2 mm, et sa longueur est 
superieure ou egale a la largeur de la surface Si. 

13. Masque selon la revendication 12, caracterise en 
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ce que la surface peripherique interne de la fente 
est inclinee par rapport a la direction perpendiculai- 
re de la surface du masque pour permettre la mise 
en contact directe des moyens permettant le retrait 
5 du liquide en exces avec ledit liquide en exces. 

14. Masque selon I'une quelconque des revendications 
1 a 13, dans lequel I'epaisseurdu masque est d'en- 
viron 1 mm a environ 20 mm, et les deniveles (3) 

10 ont une hauteur au moins egale a 0,2 mm, ou les 
rainures (3) ont une largeur suffisante pour que, 
pendant Pincubation, chaque liquide maintenu par 
capillarite entre le masque et une surface d'incuba- 
tion Si ne se melange pas avec les liquides main- 

15 tenus dans les surfaces d'incubation qui sont direc- 
tement adjacentes a Si. 

15. Masque selon la revendication 14 dans lequel 
I'epaisseur du masque est de 2 mm a 10 mm et les 

20 deniveles (3) ont une hauteur de 0,5 mm a 20 mm 
et la largeur des rainures est d'environ 1 mm a en- 
viron 1 0 mm. 

16. Masque selon I'une quelconque des revendications 
25 1 a 15, comportant plusieurs parties Sm de mas- 
que, chacune des parties Sm comportant un orifice 
de depdt (1), ce masque comportant une fente (2) 
unique destinee a permettre le retrait de I'exces de 
liquide qui est etale sur les surfaces Si du gel. 

30 

17. Masque selon ia revendication 16, caracterise en 
ce qu'il comporte entre 6 et 50 parties Sm et en ce 
que I'orifice de depot est situe dans la partie de Sm 
dont la projection sur le gel correspond a la partie 

35 anodique du gel, et en ce que la fente (2) s'etend 
perpendiculairement par rapport a la plus grande 
des dimensions des parties Sm du masque, et est 
situee dans le masque a une position telle que sa 
projection soit dans la region cathodique du gel. 

40 

18. Masque selon I'une quelconque des revendications 
1 a 17, comportant une seule partie Sm, dont les 
dimensions sont superieures ou egales a celles de 
Si, et comportant au voisinage de I'une de ses ex- 

45 tremites un orifice (1 ) ayant une forme allongee, et 
comportant egalement au voisinage de I'autre ex- 
tremite, une fente (2) destinee au retrait de I'exces 
de liquide. 

50 19. Masque selon la revendication 18, caracterise en 
ce que I'orifice (1) a une longueur correspondant a 
ia largeur de la surface d'incubation Si et la fente 
(2) a comme longueur, au moins la largeur de Si. 

55 20. Masque selon I'une quelconque des revendications 
1 a 19, comportant des moyens de positionnement 
du masque par rapport au gel tels que la distance 
minimum entre le gel et la partie Sm du masque soit 
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superieure ou 6gale a 0,1 mm, et la valeur de la 
distance maximum soit d'environ 0,5 mm a environ 
2 mm. 

21 . Masque selon Tune quelconque des revendications 
1 a 9, 14, 18 ou 19, caract6ris6 en ce que I'orifice 
de d6pot (1) est 6galement destiny a permettre le 
retrait du liquide en exces present sur la surface 
d'incubation Si du gel. 

22. Ensemble comprenant un masque selon Tune quel- 
conque des revendications 1 a 21 , et un gel permet- 
tant de realiser une incubation sur un gel prealable- 
ment sou mis a une elect rophorese ou permettant 
de faire des reactions crois6es (cross-dot). 

23. Ensemble selon la revendication 22, comportant 
des moyens de posit ionnement du masque, per- 
mettant que les parties Sm du masque soient suffi- 
samment proches du gel pour que le liquide destine 
a atre Stale sur les surfaces d'incubation Si soit 
maintenu par capillarity sur les surfaces d'incuba- 
tion Si du gel en projection des parties Sm du mas- 
que et pour que les parties Sm du masque soient 
paralleles au gel ou soient inclinees par rapport au 
gel. 

24. Ensemble selon la revendication 22, caracterisS en 
ce que les parties Sm du masque sont inclinees par 
rapport au gel, selon un angle d'environ 0,5 a envi- 
ron 3°, par exemple 1,5°. 

25. Ensemble selon la revendication 23 ou 24, carac- 
\6r\s6 en ce que la distance minimum entre le mas- 
que et le gel est au voisinage de la fente et la dis- 
tance maximum entre le masque et le gel est au 
voisinage de I'orifice de depot. 

26. Ensemble comportant un gel et un masque selon 
Tune quelconque des revendications 1 a 21, carac- 
terise en ce que le masque est placd au dessus du 
gel, la surface de depdt, d'etalement et d'incubation 
du gel etant a proximity de la face inferieure du mas- 
que. 

27. Ensemble comportant un gel et un masque selon 
Tune quelconque des revendications 1 a 21, carac- 
terise en ce que le masque est place au-dessous 
du gel, la surface de dep6t, d'etalement et d'incu- 
bation du gel etant a proximite de la face inferieure 
du masque. 

28. Procede de depdt, d'etalement et d'incubation d'un 
ou plusieurs liquide(s) sur un gel de surface Sg se- 
lon une ou plusieurs zone(s) d6termin6e(s) du gel, 
ci-apres d6signe(s) par "surface d'incubation Si", 
caracterise en ce que 
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on positionne un masque, selon I'une quelcon- 
que des revendications 1 a 21, par rapport au 
gel, de facon a ce que la partie Sm du masque 
soit suffisamment proche de la surface d'incu- 
5 bation Si, pour que le liquide destiny a etre yta- 

le sur la surface Si soit maintenu par capillarity 
sur ladite surface Si, 
et en ce que : 

on introduit le liquide dans I'orifice de depot (1 ) 

io defini ci-dessus, 

on maintient le masque par rapport au gel dans 
la position telle qu'tndiquSe ci-dessus, ou, si le 
masque et le gel sont paralleles entre eux, on 
incline le masque par rapport au gel pour que 

15 le liquide se repartisse par capillarity sur la sur- 

face Si, ou on incline I'ensemble gel et masque 
par rapport a Phorizontale de facon a ce que le 
liquide se repartisse sur la surface d'incubation 
Si par gravite, pendant un temps suffisant pour 

20 que la reaction entre ie liquide et les compo- 

sants, notamment protyines, dyposys sur le 
gel, notamment par yiectrophorese, puisse 
avoir lieu, 

a Tissue de Pincubation, on retire I'exces de li- 
25 quide etale sur la surface d'incubation determi- 

ned du gel par des moyens disposed a travers 
la fente (2) definie pr6cedemment, notamment 
a I'aide de papier filtre, 
on retire le masque du gel. 

30 

29. Procydy selon la revendication 28, dans lequel le 
masque est maintenu parallele par rapport au gel, 
et I'ensemble est incline selon un angle suffisant par 
rapport a I'horizontale, pour que le liquide s'etale 

35 par gravity sur la surface d'incubation Si. 

30. Procydy selon la revendication 30, dans lequel le 
masque est maintenu selon un angle suffisant par 
rapport au gel pour que le liquide s'elale par capil- 

40 larity sur la surface d'incubation Si. 

31. Procydy selon la revendication 30, dans lequel le 
masque est maintenu selon un angle de 0,5 a 3°, 
par exemple 1,5°, par rapport au gel, ce dernier 

45 ytant en position horizontale. 

32. Appareil d'electrophorese caracterisy en ce qu'il 
comporte un masque selon I'une quelconque des 
revendications 1 a 21 , ou un ensemble selon I'une 

50 des revendications 22 a 27, destine a I'etalement et 
a I'incubation d'un ou de plusieurs reactifs. 



Patentanspruche 

55 

1. Starre Maske, die bestimmt ist zum Aufbringen, 
zum Verteilen und zum Inkubieren einer Oder meh- 
rerer Russigkeit(en) auf ein Gel mit Gesamtoberfla- 
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che Sg in eine oder mehrere bestimmte Zone(n) 
des Gels, nachfolgend als "Inkubationsoberflache 
Si" bezeichnet, wobei die Maske umfaGt: 

eine obere Flache und eine untere Flache, wo- 5 
bei der Abstand, der die untere Flache von der 
oberen Flache trennt, die Dicke der Maske bil- 
det, 

mindestens eine Offnung (1 ), die bestimmt ist, 
das Aufbringen und die Verteilung von Flussig- 10 
keit auf der Inkubationsoberflache Si des Gels 
zu ermoglichen, und durch eine Ausnehmung 
gebildet ist, die die Maske uber ihre gesamte 
Dicke durchquert, und/oder 
mindestens eine Spalte (2), die die Maske uber 15 
ihre gesamte Dicke durchquert und dazu be- 
stimmt ist, den Ruckzug der uberschussigen 
Flussigkeit zu ermoglichen, die auf der Inkuba- 
tionsoberflache Si des Gels vorhanden ist, wo- 
bei diese Spalte in dem Teil der Maske ange- 20 
ordnet ist, deren Projektion sich entweder in der 
Inkubationsoberflache Si oder auGerhalb der 
Inkubationsoberflache Si befindet, 
Mittel zum Anordnen der Maske, die bestimmt 
sind, die untere Flache in einem bestimmten 25 
Abstand von der Oberflache Sg des Gels zu 
halten, in deren Nahe die Maske gefuhrt wird, 
unter Bedingungen, daG sie den Kontakt zwi- 
schen der unteren Flache der Maske und der 
Inkubationsoberflache Si verhindern, wenn die 30 
Maske in der Nahe des Gels ist, und daG die 
Flussigkeit auf das Gel aufgebracht wird, wobei 
die untere Flache auGerdem so ausgebildet ist, 
daG sie auf mindestens einem mit Sm bezeich- 
neten Teil keine UnregelmaGigkeit auf ihrer 35 
Oberflache aufweist, die ein Hindemis fur die 
Verteilung von Flussigkeit auf der Inkubations- 
oberflache Si sein konnte, wobei die Oberfla- 
che Sm in Bezug auf die ubrige untere Flache 
abgegrenzt ist, in der Weise, da8 die Flussig- 40 
keit sich nur auf der Oberflache Si des Gels in 
Projektion von Sm verteilen kann, wobei diese 
Projektion von Sm auf dem Gel groGer oder 
gleich der Inkubationsoberflache Si des Gels 
ist. 45 

Maske nach Anspruch 1 , in der die Oberflache Sm 
eben oder gewdlbt ist, einen Durchmesser auf- 
weist, der groGer oder gleich dem Quadrat der Lan- 
ge der Inkubationsoberflache ist, oder aus ebenen so 
oder gewolbten Facettenelementen zusammenge- 
setzt ist, die untereinander verbunden sind, wobei 
diese verschiedenen Facetten sowie ihre Verbin- 
dungen so ausgebildet sind, daG sie kein Hindemis 
fOr die Verteilung von Flussigkeit auf der Inkubati- 55 
onsoberflache Si sind. 

Maske nach Anspruch 2, in der die Oberflache Sm 



zylindrisch ist oder aus zylindrischen Facettenele- 
menten zusammengesetzt ist. 

4. Maske nach Anspruch 1 , die bestimmt ist zum Auf- 
bringen, zum Verteilen und zum Inkubieren einer 
oder mehrerer Flussigkeiten, in der die untere Fla- 
che der Maske mindestens zwei Abstuf ungen oder 
zwei Nuten (3) aufweist, wobei die Abstufungen 
oder Nuten in einem Abstand zueinander angeord- 
net sind, urn mindestens einen Teil der Maske Sm 
abzugrenzen, der keine UnregelmaGigkeiten auf 
seiner Oberflache aufweist* die ein Hindemis fur die 
Verteilung von Flussigkeit auf der Inkubationsober- 
flache Si sein konnen, und dessen Projektion auf 
ein Gel gleich oder groGer ist als eine Inkubations- 
oberflache Si des Gels, auf der die Flussigkeit ver- 
teilt werden kann, wobei die Abstufungen und Nu- 
ten eine ausreichende Hone aufweisen, daG die 
Flussigkeit durch Kapillarkraft auf der Inkubations- 
oberflache Si des Gels gehalten werden kann. 

5. Maske nach Anspruch 1 , die bestimmt ist zum Auf- 
bringen, zum Verteilen und zum Inkubieren einer 
einzigen Flussigkeit, umfassend eine einzige Off- 
nung (1), die die Maske durchquert, die bestimmt 
ist zum Aufbringen, Verteilen und Inkubieren einer 
einzigen Flussigkeit auf ein Gel in eine Inkubations- 
oberflache Si des Gels. 

6. Maske nach Anspruch 1 , die bestimmt ist zum Auf- 
bringen, zum Verteilen und zum Inkubieren 

mehrerer Flussigkeiten auf ein Gel in zugeho- 
rige Inkubationsoberflachen Si-, bis Si n oder 
einer Flussigkeit auf ein Gel in mehrere Inku- 
bationsoberflachen Si 1 bis Si n , wobei n zwi- 
schen 2 und 50 liegt, 

wobei die Maske so ausgebildet ist, daG ihre untere 
Flache Abstufungen oder Nuten (3) aufweist, wobei 
die Abstufungen oder Nuten zueinander in einem 
Abstand angeordnet sind, urn mehrere Teile der 
Maske Sit^ bis Sm n abzugrenzen, wobei n zwi- 
schen 1 und 50 liegt, die keine UnregelmaGigkeit 
auf ihrer Oberflache aufweisen, die ein Hindemis 
fur die Verteilung von FlOssigkeit auf den Oberfla- 
chen Si 1 bis Si n sein konnen, und deren Projektion 
auf das Gel groGer oder gleich den Inkubations- 
oberflachen S^ bis Si n des Gels ist, auf die die Flus- 
sigkeit verteilt werden soil, wobei die Abstufungen 
und Nuten eine ausreichende Hone aufweisen, da- 
mit die Flussigkeit durch Kapillarkraft in den Inku- 
bationsoberflachen Si-, bis Si n des Gels gehalten 
werden kann. 

7. Maske nach einem der Anspruche 1 bis 6, in der die 
Einf uhroffnung (1 ) ein Volumen aufweist, so daG sie 
in der Lage ist, ein Reservoir auszubilden, das eine 
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Speicherkapazitat fur einen UberschuB an Flussig- 
keit aufweist, um die Verteilung von Flussigkeit auf 
der Inkubationsoberflache Si sicherzustellen. 

8. Maske nach einem der Anspruche 1 bis 6, in der die 
Einfuhroffnung (1) eine langliche Form Oder eine 
Kreisform aufweist. 

9. Maske nach einem der Anspruche 1 bis 8, in der die 
Einfuhroffnung (1 ) im Bereich der Mitte des Teils Sm 
der Maske angeordnet ist und die Form einer lang- 
lichen Spalte aufweist, deren Dimensionen so ge- 
wahlt sind, daB sie ein Aufbringen der Flussigkeit 
auf die Inkubationsoberflache Si nicht behindern 
kann, wobei die Einfuhroffnung gleichermaBen in 
der Lage ist, die Funktion der Spalte sicherzustel- 
len, die bestimmt ist, den Ruckzug uberschussiger 
Flussigkeit, die auf der Oberflache Si verteilt ist, zu 
ermoglichen. 

10. Maske nach Anspruch 9, in der die Lange der Ein- 
fuhroffnung die Lange der Inkubationsoberflache Si 
ist und ihre Breite ungefahr 1 mm bis ungefahr 2 
mm betragt. 

1 1 . Maske nach einem der Anspruche 1 bis 8, in der die 
Spalte (2), die bestimmt ist, den Ruckzug der uber- 
schussigen Flussigkeit zu ermoglichen, im wesent- 
lichen parallel ist zur Breite der Inkubationsoberfla- 
che und angrenzend an den Rand der Inkubations- 
flache angeordnet ist, derdem Bereich der Einfuhr- 
offnung (1) gegenuber steht, und die Innenoberfla- 
che der Spalte ist senkrecht zur Oberflache der 
Maske. 

12. Maske nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Breite der Spalte ungefahr 1 mm bis 
ungefahr 4 mm, insbesondere 2 mm betragt, und 
ihre Lange groBer Oder gleich der Breite der Ober- 
flache Si ist. 

13. Maske nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich- 
net, daG die Innenoberflache der Spalte in Bezug 
auf die senkrechte Richtung der Oberflache der 
Maske geneigt ist, um zu er. moglichen, daB Mittel, 
die den Ruckzug von uberschussiger Flussigkeit er- 
moglichen, mit der uberschussigen Flussigkeit in di- 
rekten Kontakt gebracht werden. 

14. Maske nach einem der AnsprOche 1 bis 13, in der 
die Dicke der Maske ungefahr 1 mm bis ungefahr 
20 mm betragt und die Abstufungen (3) eine Hone 
von mindestens gleich 0,2 mm aufweisen oder die 
Nuten (3) eine ausreichende Breite aufweisen, da- 
mit wahrend der Inkubation jede Flussigkeit, die 
durch Kapillarkraft zwischen der Maske und der In- 
kubationsoberflache Si gehalten ist, sich nicht mit 
den Flussigkeiten vermischt, die in den Inkubati- 
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onsoberflachen gehalten sind, die direkt an Si an- 
grenzen. 

15. Maske nach Anspruch 14, in der die Dicke der Mas- 
5 ke von 2 mm bis 10 mm betragt und die Abstufun- 
gen (3) eine Hone von 0,5 mm bis 20 mm aufweisen 
und die Breite der Nuten ungefahr 1 mm bis unge- 
fahr 10 mm betragt. 

10 16. Maske nach einem der Anspruche 1 bis 15, umfas- 
send mehrere Teile Sm der Maske, wobei jeder der 
Teile Sm eine Einfuhroffnung (1) umfaBt, wobei die 
Maske eine einzige Spalte (2) umfaBt, die dazu be- 
stimmt ist, den ROckzug uberschussiger Flussigkeit 

15 zu ermoglichen, die auf den Oberflachen Si des 
Gels verteilt ist. 

17. Maske nach Anspruch 16, dadurch gekennzeich- 
net, daB sie zwischen 6 und 50 Teilen Sm umfaBt 

20 und dadurch, daB die Einfuhroffnung in dem Teil von 
Sm angeordnet ist, dessen Projektion auf dem Gel 
dem anodischen Teil des Gels entspricht, und da- 
durch, daB die Spalte (2) sich in Bezug auf die 
groBte der Abmessungen der Teile Sm der Maske 
2S senkrecht erstreckt und in der Maske an einer Po- 
sition angeordnet ist, so daB ihre Projektion im ka- 
thodischen Bereich des Gels liegt. 

18. Maske nach einem der Anspruche 1 bis 17, umfas- 
30 send einen einzigen Teil Sm, dessen Abmessungen 

groBer oder gleich derer von Si sind, und umfas- 
send im Bereich des einen der Enden eine Offnung 
(1 ) von ianglicher Form und im Bereich des anderen 
Endes gleichermaBen umfassend eine Spalte (2), 
35 die zum Ruckzug uberschussiger Flussigkeit be- 
stimmt ist. 

19. Maske nach Anspruch 18, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Offnung (1) eine Lange entsprechend 

40 der Breite der Inkubationsoberflache Si aufweist 
und die Spalte (2) in der Lange mindestens die Brei- 
te von Si aufweist. 

20. Maske nach einem der Anspruche 1 bis 19, umfas- 
45 send Mittel zum Anordnen der Maske in Bezug auf 

das Gel, so daB der Minimalabstand zwischen dem 
Gel und dem Teil Sm der Maske groBer oder gleich 
0,1 mm ist und der Wert des Maximalabstandes un- 
gefahr 0,5 mm bis ungefahr 2 mm betragt. 

so 

21. Maske nach einem der Anspruche 1 bis 9, 14, 18 
oder 19, dadurch gekennzeichnet, daB die Einfuhr- 
offnung (1) gleichermaBen dazu bestimmt ist, den 
Ruckzug von uberschussiger Flussigkeit zu ermdg- 

55 lichen, die auf der Inkubationsoberflache Si des 
Gels vorhanden ist. 

22. Anordnung umfassend eine Maske nach einem der 
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Anspruche 1 bis 21 und ein Gel, die ermoglichen, 
eine Inkubation auf einem Gel auszufuhren, das zu- 
vor einer Elektrophorese unterzogen wurde, oder 
die ermoglichen, Kreuzreaktionen (cross-dot) 
durchzufuhren. 

23. Anordnung nach Anspruch 22 umfassend Mittel 
zum Anordnen der Maske, die ermoglichen, daB die 
Teile Sm der Maske ausreichend nahe zum Gel 
sind, damitdie Flussigkeit, die auf den Inkubations- 
oberflachen Si verteilt werden soli, durch Kapillar- 
kraft auf den Inkubationsoberflachen Si des Gels in 
Projektion auf die Teile Sm der Maske gehalten ist 
und damit die Teile Sm der Maske parallel zum Gel 
sind oder in Bezug auf das Gel geneigt sind. 

24. Anordnung nach Anspruch 22, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft die Teile Sm der Maske in Bezug auf 
das Gel in einem Winkel von ungefahr 0,5 bis un- 
gefahr 3°, beispielsweise 1 ,5° geneigt sind. 

25. Anordnung nach Anspruch 23 oder 24, dadurch ge- 
kennzeichnet, daft der Minimalabstand zwischen 
der Maske und dem Gel im Bereich der Spalte und 
der Maximalabstand zwischen der Maske und dem 
Gel im Bereich der Einfuhroffnung liegt. 

26. Anordnung umfassend ein Ge! und eine Maske 
nach einem der Anspruche 1 bis 21 , dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Maske auf das Gel angeord- 
net ist, wobei die Oberflache zum Aufbringen, Ver- 
teilen und Inkubieren des Gels in der Nahe der un- 
teren Seite der Maske ist. 

27. Anordnung umfassend ein Gel und eine Maske 
nach einem der Anspruche 1 bis 21, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Maske unter das Gel ange- 
ordnet ist, wobei die Oberflache zum Aufbringen, 
Verteilen und Inkubieren des Gels in der Nahe der 
unteren Seite der Maske ist. 

28. Verfahren zum Aufbringen, Verteilen und Inkubie- 
ren einer oder mehrerer Flussigkeit(en) auf ein Gel 
mit Gesamtoberflache Sg in eine oder mehrere be- 
stimmte Zone(n) des Gels, nachfolgend als "Inku- 
bationsoberflache Si" bezeichnet, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB 
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die Maske in Bezug auf das Gel in einer Posi- 
tion gehalten wird wie es oben angegeben ist, 
oder, wenn die Maske und das Gel zueinander 
parallel sind, wird die Maske in Bezug auf das 
Gel geneigt, damit sich die Flussigkeit durch 
Kapillarkraft auf der Oberflache Si verteilt, oder 
die Anordnung aus Gel und Maske wird in Be- 
zug auf die Horizontale geneigt, in der Weise, 
daB die Flussigkeit sich auf der Inkubations- 
oberflache Si durch die Schwerkratt verteilt, 
wahrend einer Zeit, die ausreicht, daB die Re- 
aktion zwischen der Flussigkeit und den Ver- 
bindungen, insbesondere Proteinen, die auf 
dem Gel vorhanden sind, insbesondere durch 
Elektrophorese, stattfinden kann, 
nach Ende der Inkubation die uberschussige 
Flussigkeit, die auf der bestimmten Inkubati- 
onsoberflache des Gels verteilt ist, durch ange- 
ordnete Mittel durch die Spalte (2) wie zuvor de- 
finiert abgezogen wird, insbesondere mit Hilfe 
von Filterpapier, 

die Maske vom Gel entfernt wird. 



29. Verfahren nach Anspruch 28, in dem die Maske in 
25 Bezug auf das Gel parallel gehalten wird und die 

Anordnung in einem ausreichenden Winkel zur Ho- 
rizontale geneigt wird, damit die Flussigkeit sich 
durch Schwerkraft uber die Inkubationsoberflache 
Si verteilt. 

30 

30. Verfahren nach Anspruch 28, in dem die Maske in 
einem ausreichenden Winkel in Bezug auf das Gel 
gehalten wird, damit die Flussigkeit sich durch Ka- 
pillarkraft uber die Inkubationsoberflache Si verteilt. 

35 

31 . Verfahren nach Anspruch 30, in dem die Maske in 
einem Winkel von 0,5 bis 3°, zum Beispiel 1 ,5°, in 
Bezug auf das Gel gehalten wird, wobei das letztere 
in horizontaler Position ist. 

40 

32. Elektrophoresegerat, dadurch gekennzeichnet, 
daB es eine Maske nach einem der Anspruche 1 bis 
21 umfaBt oder eine Anordnung nach einem der An- 
spruche 22 bis 27, das bestimmt ist zur Verteilung 

& und zur Inkubation eines oder mehrerer Reagenzi- 
en. 



eine Maske nach einem der Anspruche 1 bis 
21 in Bezug auf das Gel angeordnet wird, in der 
Weise, daB der Teil Sm der Maske ausreichend 
nahe an der Inkubationsoberflache Si ist, damit 
die Flussigkeit, die auf der Oberflache Si ver- 
teilt werden soli, durch Kapillarkraft auf der 
Oberflache Si gehalten wird, 
und dadurch, daB 

die Flussigkeit in die oben definierte Einfuhroff- 
nung (1) eingefuhrt wird, 



Claims 



50 



1 . Rigid mask intended for deposition, spreading and 
incubation of one or several liquids on a gel of total 
surface area Sg according to one or several well- 
defined zones of the gel, hereafter designated by 
55 "incubation surface Si", this mask comprising: 

an upper surface -and a lower surface, the dis- 
tance separating the lower surface and the up- 
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per surface constituting the thickness of the 
mask, 

at least one orifice (1) intended to permit dep- 
osition and spreading of the liquid on the incu- 
bation surface Si of the gel, and constituted by 5 
a recess crossing the mask over the whole of 
its thickness, and/or 

at least one slit (2) crossing the mask over the 
whole of its thickness and intended to permit 
withdrawal of the extra liquid present on the in- io 
cubation surface Si of the gel, this slit being sit- 
uated in the part of the mask whose projection 
needs to be either in the incubation surface Si, 
or outside the incubation surface Si, 
mask positioning means, intended to keep its is 
lower surface at a determined distance from the 
surface Sg of the gel in proximity to which the 
mask would be brought, under conditions such 
that they prevent contact between the lower 
surface of the mask and the incubation surface 20 
Si, when the mask is in proximity to the gel and 
the liquid is deposited on the gel, this lower sur- 
face being furthermore such that it does not in- 
clude, over at least a pant of itself designated 
by Sm, any irregularity on its surface capable 25 
of being an obstacle to spreading of the liquid 
on the incubation surface Si, the surface Sm 
being delimited with respect to the rest of the 
lower surface, so that the liquid can only spread 
on the surface Si of the gel which is a projection 30 
of Sm, this projection of Sm on the gel being 
greater than or equal to the area of the incuba- 
tion surface Si of the gel. 

Mask according to Claim 1 , in which the surface Sm 35 
is flat or curved, of diameter greater than or equal 
to the square of the length of the incubation surface, 
or is composed of flat or curved, elementary facets 
which are connected together, these various facets, 
as well as their connections, being such that there 40 
is no obstacle to the spreading of the liquid on the 
incubation surface Si. 

Mask according to Claim 2, in which the surface Sm 
is cylindrical or is composed of cylindrical elemen- 45 
tary facets. 

Mask according to Claim 1 , intended for the depo- 
sition, spreading and incubation of one or several 
liquids, in which the lower surface of the mask com- so 
prises at least two differences in height or two 
grooves (3), the differences in height or grooves be- 
ing spaced apart from each other in order to delimit 
at least a part of the mask Sm, which part does not 
include any irregularity on its surface capable of be- ss 
ing an obstacle to the spreading of the liquid on the 
incubation surface Si, and whose projection on a 
gel is equal to or greater than the area of an incu- 



bation surface Si of the gel on which surface the 
liquid can be spread, the differences in height and 
the grooves having a height sufficient for the liquid 
to be able to be kept by capillarity on the aforesaid 
incubation surface Si of the gel. 

5. Mask according to Claim 1 , intended for the depo- 
sition, spreading and incubation of a single liquid, 
comprising a single orifice (1) crossing the mask, 
intended to permit the deposition, spreading and in- 
cubation of a single liquid on a gel according to an 
incubation surface Si of the gel. 

6. Mask according to Claim 1 , intended for the depo- 
sition, spreading and incubation 

of several liquids on a gel according to respec- 
tive incubation surfaces Si 1 to Si n or 
of one liquid on a gel according to several incu- 
bation surfaces S^ to Si n , n ranging from 2 to 
50, this mask being such that its lower surface 
comprises differences in height or grooves (3), 
the differences in height or grooves being 
spaced apart from each other in order to delimit 
several parts of the mask Sir^ to Sm n> n rang- 
ing from 1 to 50, including no irregularity on 
their surface capable of being an obstacle to 
the spreading of the liquid on the surfaces Si-, 
to Si n , and whose projection on the gel is great- 
er than or equal to the areas of the incubation 
surfaces S^ to Si n of the gel, on which surfaces 
the liquid is to be spread, the differences in 
height and the grooves having a height suffi- 
cient for the liquid to be able to be kept by cap- 
illarity in the aforesaid incubation surfaces Si 1 
to Si n of the gel. 

7. Mask according to any one of Claims 1 to 6, in which 
the deposition orifice (1 ) has a volume such that it 
is capable of constituting a reservoir having a ca- 
pacity for retaining the extra liquid in order to assure 
spreading of the liquid on the incubation surface Si. 

8. Mask according to any one of Claims 1 to 6, in which 
the deposition orifice (1 ) has an elongated shape or 
a circular shape. 

9. Mask according to any one of Claims 1 to 6, in which 
the deposition orifice (1 ) is situated in the vicinity of 
the middle of the part Sm of the mask and has the 
shape of an elongated slit, whose dimensions are 
such that it cannot prevent the liquid being depos- 
ited on the incubation surface Si, this deposition or- 
ifice also being capable of assuring the function of 
the slit intended to permit withdrawal of the extra 
liquid which is spread on the surface Si. 

10. Mask according to Claim 9, in which the length of 
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the deposition orifice is the length of the incubation 
surface Si, and its width is approximatety 1 mm to 
approximately 2 mm. 

11. Mask according to any one of Claims 1 to 8, in which 5 
the slit (2) intended to permit withdrawal of the extra 
liquid is substantially parallel to the width of the in- 
cubation surface and is positioned adjacently to the 
edge of the incubation surface which is opposite to 
the vicinity of the deposition orifice (1 ), and the in- 10 
ternal peripheral surface of the slit is perpendicular 
to the surface of the mask. 



18. Mask according to any one of Claims 1 to 17, com- 
prising a single part Sm, whose dimensions are 
greater than or equal to those of Si, and comprising 
in the vicinity of one of its ends an orifice (1 ) having 
an elongated shape, and also comprising in the vi- 
cinity of the other end, a slit (2) intended for with- 
drawing the extra liquid. 

19. Mask according to Claim 18, characterized in that 
the length of the orifice (1) corresponds to the width 
of the incubation surface Si, and the length of the 
slit (2) is at least the width of Si. 



12. Mask according to Claim 11, characterized in that 
the width of the slit is approximately 1 mm to ap- 
proximately 4 mm, in particular 2 mm, and its length 
is greater than or equal to the width of the surface Si. 

13. Mask according to Claim 12, characterized in that 
the internal peripheral surface of the slit is inclined 
with respect to the direction perpendicular to the 
surface of the mask in order to permit means per- 
mitting withdrawal of extra liquid to be placed in di- 
rect contact with the said extra liquid, 

14. Mask according to any one of Claims 1 to 13, in 
which the thickness of the mask is approximately 1 
mm to approximately 20 mm, and the differences in 
height (3) have a height at least equal to 0.2 mm, 
or the grooves (3) have a width sufficient so that, 
during incubation, each liquid kept by capillarity be- 
tween the mask and an incubation surface Si does 
not mix with the liquids kept in the incubation sur- 
faces which are directly adjacent to Si. 

15. Mask according to Claim 14, in which the thickness 
of the mask is from 2 mm to 10 mm and the differ- 
ences in height (3) have a height of 0.5 mm to 20 
mm and the width of the grooves is approximately 
1 mm to approximately 10 mm. 

16. Mask according to any one of Claims 1 to 15, com- 
prising several mask parts Sm, each of the parts 
Sm comprising a deposition orifice (1), this mask 
comprising a single slit (2) intended to permit with- 
drawal of the extra liquid which is spread on the sur- 
faces Si of the gel. 

17. Mask according to Claim 16, characterized in that 
it comprises between 6 and 50 parts Sm, and in that 
the deposition orifice is situated in the part of Sm 
whose projection on the gel corresponds to the 
anodic parts of the gel, and in that the slit (2) ex- 
tends perpendicularly with respect to the largest of 
the dimensions of the part Sm of the mask and is 
situated in the mask at a position such that its pro- 
jection is in the cathodic region of the gel. 



20. Mask according to any one of Claims 1 to 19, com- 
15 prising means for positioning the mask with respect 

to the gel such that the minimum distance between 
the gel and the part Sm of the mask is greater than 
or equal to 0.1 mm, and the value of the maximum 
distance is approximately 0.5 mm to approximately 
20 2 mm. 

21. Mask according to any one of Claims 1 to 9, 14, 18 
or 1 9, characterized in that the deposition orifice (1 ) 
is also intended to permit withdrawal of the extra 

25 liquid present on the incubation surface Si of the gel. 

22. Set comprising a mask according to any one of 
Claims 1 to 21 and a gel permitting implementation 
of an incubation on a gel previously subjected to 

30 electrophoresis or permitting crossed (cross-dot) 
reactions to be carried out. 

23. Set according to Claim 22, comprising mask posi- 
tioning means permitting the parts Sm of the mask 

35 to be sufficiently close to the gel for the liquid in- 
tended to be spread on the incubation surfaces Si 
to be kept by capillarity on the incubations surfaces 
Si of the gel in projection of the parts Sm of the mask 
and for the parts Sm of the mask to be parallel to 
40 the gel or to be inclined with respect to the gel. 

24. Set according to Claim 22, characterized in that the 
parts Sm of the mask are inclined with respect to 
the gel according to an angle of approximately 0.5 

45 to approximately 3°, for example 1 .5°. 

25. Set according to Claim 23 or 24, characterized in 
that the minimum distance between the mask and 
the gel is in the vicinity of the slit and the maximum 

50 distance between the mask and the gel is in the vi- 
cinity of the deposition orifice. 

26. Set comprising a gel and a mask according to any 
one of Claims 1 to 21 , characterized in that the mask 

55 is placed above the gel, the surface for deposition, 
spreading and incubation of the gel being in prox- 
imity to the lower face of the mask. 
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27. Set comprising a get and a mask according to any 
one of Claims 1 to 21 , characterized in that the mask 
is placed below the gel, the surface for deposition, 
spreading and incubation of the gel being in prox- 
imity to the lower face of the mask. 



comprises a mask according to any one of Claims 
1 to 21 , or a set according to one of Claims 22 to 
27, intended for the spreading and for the incuba- 
tion of one or several reagents. 



28. A method of deposition, spreading or incubation of 
one or several liquids on a gel of surface Sg accord- 
ing to one or several well-defined zones of the gel, 
hereafter designated by "incubation surface Si", 
characterized in that 



10 



a mask is positioned, according to any one of 
Claims 1 to 21 , with respect to the gel, so that 
the part Sm of the mask should be sufficiently is 
close to the incubation surface Si for the liquid 
intended to be spread on the surface Si to be 
kept by capillarity on the said surface Si, 
and in that: 

the liquid is introduced into the deposition ori- 20 
fice (1) defined hereinabove, 
the mask is kept with respect to the gel in the 
position as indicated hereinabove, or, if the 
mask and the gel are parallel to each other, the 
mask is inclined with respect to the gel in order 25 
that the liquid should be distributed by capillar- 
ity on the surface Si, or the gel and mask set is 
inclined with respect to the horizontal so that 
the liquid should be distributed on the incuba- 
tion surface Si by gravity, for a sufficient time 30 
for the reaction between the liquid and the com- 
ponents, in particular proteins, deposited on 
the gel, in particular by electrophoresis, to take 
place, 

at the end of the incubation, the extra liquid 35 
spread on the well-defined incubation surface 
of the gel is withdrawn via means arranged 
through the previously defined slit (2), in partic- 
ular with the aid of filter paper, 
the mask is withdrawn from the gel. 40 



29. Method according to Claim 28, in which the mask 
is kept parallel with respect to the gel, and the set 
is inclined according to a sufficient angle with re- 
spect to the horizontal for the liquid to spread by 
gravity on the incubation surface Si. 



45 



30. Method according to Claim 28, in which the mask 
is kept according to an angle sufficient with respect 
to the gel in order for the liquid to spread by capil- 
larity on the incubation surface Si. 



so 



31. Method according to Claim 30, in which the mask 
is kept according to an angle of 0.5 to 3°, for exam- 
ple 1.5°, with respect to the gel, the latter being in 
a horizontal position. 



55 



32. Electrophoresis apparatus characterized In that it 
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